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巻頭言 

プラズマインターフェイシング 

東京大学大学院工学系研究科 吉田 豊信 

 
企業や組織には 30 年周期説なるものがある。起源は自然界の周期から来ているのかもしれない

が、我が身を振り返り人間の活動期と照らし合わせれば、明らかに人が関与する事象には当ては

まりそうである。その意味で、人の活動を基盤とする学術分野にも当然当てはまろう。プラズマ

関連分野が周期のどこに現在位置するかは見方によっても異なろうが、多様な学術分野での核生

成-成長-凝集合体過程に照らせば、少なくとも包括的には第一期高度成長期は終えたように思える。

事実 30 年前、私と同世代の人にとっては素朴な意味で“プラズマは太陽であった”が、平成の若

人にとっては “プラズマ”の響きにそれほどの新鮮さを覚えず既存のものとして受け入れている

様に感じる。少なくともワクワク感を醸し出すような響きを与えていない事は確かである。断っ

ておきたいが、このような状況に悲観しているのではない。ただ、このような状況をある意味で

は自然であると認めた上で、優秀な若手研究者のプラズマ関連分野への積極的勧誘なくして、新

たな 30 年に向けた展開はあり得ないと認識することの重要性を強調したいがためである。 
 雑談的に、このような事を国際会議等で話すと多くの諸外国研究者からも賛同を得るが、若い

人に“ワクワク感”を与え、参入の誘惑に駆り立てる方策はあるのか？ということになると、当

然ながら cookbook のような簡便なものは世界的にも存在しないことが顕在化する。ただ、私の拙

い経験からすれば、何時の時代にも若人の関心事は物事の絶対値ではなく“勾配”に注視される

ことであり、このことは世界共通の真理のように思われる。最近、時代がそうさせるのか、我が

国では特にこの傾向が顕著である。要するに、先進諸国である程度生活が保証されている若人は、

成し遂げられた過去よりも未来が欲しくなる、という至極当然の帰結でもある。この要請、即ち、

分野の勾配を具体的に示すには、彷彿たる未来を予感させ“夢”を提示しうる単純かつ明解な旗

印を上げる事がまず必要である。最適な例は Nano-technology であろう。米国での

Nano-technology の提言背景が如何なるものであったかについての裏事情の詳細は承知していな

いが、理系学生の急激な減少に寄る国家的危機感があったことは間違いなく、現状がどうであろ

うと Nano-science ではなかったことからも伺える。実際、Nano-technology の説明に「国会図書

館の全ての情報を 1 個の角砂糖に収納する技術」と新聞などに表されたことは記憶に新しく、ま

た、nano-technology関連の予算の増加と米国理系学生数の増加には明らかな相関が認められる。

要するに、nano-technology の隆盛は、物事の展開には、政治であろうと科学であろうと、現在

推移している何本かの流れの交わりに端を発する明解な旗印を上げることが必須要件であること

の具体例とも言える。 
 さて、科学技術全般での流れを考えてみると、広義な意味でのナノテクノロジーの流れに紆余

曲折はあっても少なくとも今後 10 年間は継続されることに異論はないものと考えられる。私が関

与するマテリアル分野でもそれに関連した「マテリアルシステム」の概念が様々な分野で展開さ

れ、言葉としても定着しつつある。この概念は要素の非線形的有機的集合がシステムであり、当

然のことながらマテリアルシステムとしての最適解が必ずしも各要素の最適解の和とはならない

ことに起因している。マテリアル分野のもう一つの世界的潮流は、バイオマテリアル、電子・光
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マテリアル/デバイス、環境・基盤マテリアルへの分化展開である。しかし、Discipline 内の分化

傾向は結果として Discipline の衰退を意味し、統合化を可能とする横断的概念、それも Discipline
を外向きに展開しうる共通概念が世界的にも模索されているのが現状である。見方を変えれば、

我が国から発信する絶好の機会と言えなくもない。唯一無二とは言わないまでも、可能性のある

概念は「界面」であろう。バイオマテリアルの主題はマテリアルと人体環境との界面であり、電

子・光マテリアル/デバイスの主題が界面であることは言うに及ばす、環境基盤マテリアルもマテ

リアルと環境、あるいはマテリアル内での界面制御が主題であるとも言える。しかし、界面科学

や界面工学は実在しており、それほど新しい概念ではないが、いずれも主として「界面」を名詞

的に、即ち、静的な interface として捉えることが主であり interface を動詞的に、即ち、積極的

に機能発現の場として捉える「interfacing」的観点に弱い。”interfacing”は情報・制御関係では

良く見かける言葉ではあるが、マテリアル関係での使用は筆者の知る限り殆どなく「interfacing」
は日本発英語である。 
 以上を受け、還暦直前の戯言かもしれないが、plasma technology - materials system - 
interfacingの交わりに端を発する「プラズマインターフェイシング」をプラズマ材料プロセシン

グ分野でのイノベーション展開のキーワードの一つとして提案するとともに、「ナノレベルでしか

発現しない現象、あるいはナノレベルでの構造制御により発現する特異な現象を、プラズマの活

用により表面・界面で集積統合化することによって、マクロレベルで発現する新規多様な機能を

付加した未来材料システムの創製技術」と仮に定義しておきたい。この概念にワクワク感を有し

更に精緻化してみたいとの若手研究者が 1 人でも現れれば、その後ろには 10 人の予備軍が待ち受

けているのが常であり、私にとって望外の喜びである。本分科会が 10 人の若手研究者にワクワク

させる新たな概念を提示あるいは場を提供することができれば、100 人の予備軍が待ち受けてい

る。今後 30 年に向けて駆け上がる中堅若手研究者の旗揚げを期待したい。 
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トピックス 

Von Engel Prize 受賞：報告とお礼 

東北大学名誉教授 佐藤徳芳 

 
小生、この度プラハで開催されました第２８回

電 離 現 象 国 際 会 議 （ XXVIII International 

Conference on Phenomena in Ionized Gases, July 

16–20, 2007, Prague, Czech Republic）におい

て、Von Engel Prize (2007)受賞の栄誉に浴しま

した。授賞対象は「Excitation and Stability of 

Ion Acoustic Waves in Plasmas」です。付記の文

章は、「Noriyoshi Sato’s works cover a wide range 
of experimental investigations on plasma 

physics and applications. Topics of his 

research were concerned with plasma waves and 

instabilities, plasma structure control and 

potential formation, negative-ion plasmas, 

fullerene plasmas, and fine-particle plasmas. 

The works have been extended to active plasma 

control for plasma applications」となっており

ます。授賞式後に、Von Engel Prize Lecture “Some 
Basic Plasma Experiments Extended in Plasma 

Applications” を終え、帰途に Max-Planck 研究

所 (Garching, Deutschland) で宇宙ステーショ

ン利用次世代微粒子プラズマ装置への球状プラズ

マ生成提案を吟味して帰国致しました。 

Von Engel Prize は、プラズマ・放電の研究に

おいて多くの優れた先駆的業績をあげた Hans von 

Engel 教授（当時、University of Oxford）を記

念して１９９８年に設けられた賞で、隔年開催の

プラズマ・放電の研究分野では最も古く、大きな

会議である電離現象国際会議において、プラズ

マ・放電分野の進展に顕著な貢献をした研究者に

授与されてきております。R. Balescu (1999, 

Belgium)､U. Kogelshatz (2001, Deutschland)、

J. E. Allen (2003, United Kingdom)、H. A. 

Lieberman (2005, USA) が受賞しています。 

小生への授賞は、プラズマ物理学の黎明期に行

ったプラズマ中イオン波の実験的研究に対してで

あります。提案したイオン波のグリッド励起法は

その後に国内外の多くの研究グループで採用され

ました。プラズマ物理学の展開を振り返り、多少

の貢献をしたのかとは思います。突然のメールで

授賞の知らせがあり、驚いたものですが、直接の

対象がほぼ４０年前に行った研究であることには、

驚愕の極みを覚えました。古稀を迎えることでも

あり、ここに、いささか過去の研究経過を振り返

り、今日まで賜りました多くのご支援に感謝申し

上げ、受賞報告をさせて頂く次第です。 

小生は、東北大学（工学部電気工学科）を昭和

３５年３月に卒業しております。渡辺 寧先生の研

究室最終年の卒業生です。渡辺先生傘下には、助

教授として、放電・プラズマ研究の八田吉典先生、

半導体研究の西澤淳一先生がおられました。小生

は、放電・プラズマ研究を希望し、八田先生の指

導のもとに研究生活を始めました。先生から頂い

たテーマは「暗プラズマのインピーダンス」でし

た。当時、回路素子としての放電管（半導体素子

においても）のインピーダンスの解明は必須でし

た。その頃に研究室でインピーダンスの研究を行

っておりましたのが柴田昭太郎先輩（日立製作所

で半導体事業を展開、後に現日立国際電気の社

長・会長を歴任）でした。柴田先輩の研究対象は

熱陰極グロー放電プラズマのインピーダンスでし

た。グロープラズマでは電離がインピーダンスに

重要な影響を与えます。八田先生のアイデアは、

グロープラズマの理解の一助として、電離のない、

より単純な暗プラズマのインピーダンスの把握で

した。熱陰極—陽極間、陽極近傍にグリッド（格

子）を置き、グロー領域をグリッド－陽極間に制

限して、陰極—グリッド間に暗プラズマを実現し

ます。陰極—グリッド間に交流電圧を印加してイ

ンピーダンスを測定するのですが、八田先生、柴

田先輩の指導を頂きながら、特異な周波数依存を

する特性を苦労して測定したことを思い出します。

次は、理論的説明です。ここで、イオン波が必要

になりました。グリッドでイオン波が励起され、

その伝搬がインピーダンスを左右するとして説明
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することになった訳です。以上の経過が、小生が

イオン波、特にそのグリッド励起に深く関わる機

縁となりました。 

大学院に進み、イオン波そのものの研究を行う

ことになります。その頃、電離気体に関しては、

Von Engel（訳：山本賢三）の著書、プラズマ物理

に関しては、L. Spitzer の著書を読んでおりまし

た。イオン波の概略は、Spitzer の本で把握しま

した。当時、プラズマ波動の実験的研究は放電管

中に自然発生する寄生振動に関するものが殆どで

あり、プラズマ波動を外部から励起する実験は主

流ではありませんでした。イオン波を励起し、そ

の伝搬・減衰を測定する上で参考となったのが、

東北大学で長尾重夫先生・佐藤照幸助手が行って

おりました Alfvén 波の実験でした。これは極め

て先駆的な研究であり、電磁的に波を励起し、そ

の伝搬・減衰を測定していました。波が異なり、

励起手法も違いますが、実験の方向は同じでした。

自然発生の振動に悩まされましたが、暗プラズマ

中にイオン波をグリッド励起し、その伝搬・減衰

の測定に成功しました。その結果を八田先生がミ

ュンヘンでの第５回電離現象国際会議で発表して、

イオン波のグリッド励起が広く知られることにな

りました。その後、この手法は国内外で広く採用

され、プラズマ物理学発展に欠かせない Landau 

減衰などの無衝突プラズマの線形・非線型現象の

解明に役立ちました。 

大学院修了後、東北大学に勤務し、イオン波に

関わる研究を続けました。実験結果を物理学会で

発表し、高山一男先生、板谷良平先生などから厳

しい質問を受けたものです。当時の学会はプラズ

マ物理学の惣明期に相応しく、議論が活発で発憤

興起する絶好の場でした。名古屋大学付置プラズ

マ研究所の共同研究者として、接触電離プラズマ

中のイオン波の実験を行いましたが、小生にとっ

ての本格的なプラズマ物理の研究はこの頃から始

まりました。接触電離プラズマは無衝突プラズマ

の研究に大いに役立ちましたし、個性的な池上英

雄先生、池地弘行先生など、多くの研究者との出

会いもその端緒となりました。その頃のプラズマ

研究所は、若い研究者にとって、真に理想的なも

のでした。イオン波の研究は次第に他のプラズマ

波動・不安定現象へと発展しました。オーストリ

アのインスブルック大学、デンマークのリゾー研

究所から招かれ、接触電離プラズマ中のプラズマ

波動・不安定現象の研究を遂行しましたが、そこ

での生活は、多くの外国人研究者との交流、そし

て独特の環境など、この上なく愉快なものでした。 

研究はその後に強い非線形現象としての電気二

重層、プラズマ電位形成、プラズマ局所構造の制

御へと移りますが、いずれも主に接触電離プラズ

マを使用したものでした。電位形成・構造制御は

核融合プラズマの基礎研究の一端として展開され

ました。一方、イオン波の性質が極端に変化する

負イオンプラズマに関心を持ちました。そして、

より巨大な負イオンを含むフラーレンプラズマ、

微粒子プラズマへと研究対象を変えていきました。 

プラズマ物理学の大要が確立し、一方プラズマ

応用の重要性が広く認識されてきました頃、池上

先生の提案でプラズマ基礎関係者とプラズマ応用

関係者の会合が開催されました。プラズマ応用の

松田彰久先生、広瀬全孝先生などとの出会いが刺

激的でした。この会がきっかけとなり、板谷先生

を代表とする“反応性プラズマ”のプロジェクト

がスタートしました。イオン波でも重要な電子温

度制御が小生の課題で、この遂行に暗プラズマお

よびプラズマ構造制御の知見が役立ちました。そ

れらはまた、均一プラズマプロセス用大面積プラ

ズマの実現にも有益でした。上述の基礎研究の一

部を採用した半導体デバイス用装置が企業で製作

され、役立っていることは望外の喜びです。そし

て、電子温度制御、加えてプラズマ中のダスト(微

粒子)制御が、反応性プラズマ利用の今後のプラズ

マ応用では、ますます重要になると思われます。 

反応性プラズマには無限の可能性が秘められて

います。現在も、余裕ある時間を活用し、幾つか

の企業と関係して微力ながら反応性プラズマの基

礎研究を続けております。また、宇宙ステーショ

ン利用の微小重力下微粒子プラズマ研究への日本

チームの参画に力を注いでいます。自宅の小型装

置でのプラズマ実験を楽しんだりもしています。 

最後に、菅井秀郎先生など、研究を共にした多

くの研究者に感謝し、同時に自宅に安置する恩師

八田吉典先生御夫妻の御位牌に Von Engel Prize
の受賞を謹んで報告しましたことを申し添えます。 
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トピックス 
応用物理学会講演会「プラズマエレクトロニクス」大分類の発足 

名古屋大学 豊田 浩孝 
 

応用物理学会講演会におけるプラズマエレクト

ロニクス分野の講演はこれまで「放射線・プラズ

マエレクトロニクス」大分類の一部としておこな

われてまいりました。しかし、プラズマエレクト

ロニクス分野の発展とともに本分野の講演件数も

増加を続け、近年では中分類分科数も６つとなる

大きな研究分野のひとつとなっております。この

ような分野の発展が認められ、来年春の応用物理

学会よりプラズマエレクトロニクス分野が新しい大分

類として独立し、大分類番号８「プラズマエレクトロニ

クス」が発足する運びとなりましたのでご案内申

し上げます。これは長年にわたるプラズマエレク

トロニクス分科会会員の皆様のご尽力の賜物であ

り、誠に喜ばしいことと存じます。 
「プラズマエレクトロニクス」大分類の発足に

あたり、次回春の応用物理学会では皆様の多数の

ご講演をいただきますよう、お申込をお待ちして

おります。

 
  新大分類「８ プラズマエレクトロニクス」中分類分科名・分科細目名・キーワード一覧 

大分類

分科名 
８．プラズマエレクトロニクス 

中分類

分科名

( 主 な

キーワ

ード)  

8.1．プラズマ生成・制御（マイクロ波

プラズマ， RF プラズマ，大気圧プラズマ，

マイクロプラズマ，モデリング・シミュレ

ーション，反応性プラズマの制御，気液界

面・液中プラズマ，プラズマジェット）

8.2．プラズマ診断・計測（プラズマ計

測技術（光学的計測、粒子計測），表面計

測技術，プラズマ・表面診断，プロセスモ

ニタリング技術，その他の診断・計測技術）

8.3．プラズマ成膜・表面処理（CVD，

PVD・スパッタリング，表面改質・表面修

飾，有機・バイオプロセス，微粒子・異物

制御，プロセスクリーン化，アーク・プラ

ズマジェット応用） 8.4．プラズマエ
ッチング（エッチング，新材料・新構造

の微細加工，クリーニング，アッシング，

ダメージ，APC・自律制御・装置制御，シ

ミュレーション，プロセス装置設計支援）

8.5．プラズマナノテクノロジー（ナ

ノチューブ・ナノウォール・ナノホーン，

フラーレン，プラズマナノ加工，微粒子合

成，自己組織化・自己整合膜，構造制御・

新構造，材料合成，ナノ構造による新機能，

デバイス応用） 8.6．プラズマ現象・
新応用・融合分野（原子分子・放電過程，

光源，ディスプレイ，レーザープラズマ，

プラズマフォトニクス，環境応用，バイオ

応用，エネルギー応用，プラズマフォトニ

クス，液体・液中プラズマ応用，その他の

応用） 

中分類
分科名 

細目
番号

分科細目名 

811 マイクロ波プラズマの生成・制御 

812 RF プラズマの生成・制御 

813 大気圧プラズマの生成・制御 

814 マイクロプラズマの生成・制御 

8.1 プラズ

マ生成・制

御 
815 その他のプラズマの生成・制御とシ

ミュレーション 

821 光学的計測および診断 

822 粒子計測および診断 

823 気相・表面反応 

824 プロセスモニタリング技術 

8.2 プラズ

マ診断・計

測 

825 その他の診断・計測技術 

831 CVD および PVD 

832 表面処理 

833 有機・バイオプロセス 

834 成膜・表面処理装置および制御技術

8.3 プ ラ

ズ マ 成

膜・表面処

理 
835 その他のプラズマ応用プロセス 

841 Si・金属のエッチング 

842 絶縁膜のエッチング 

843 アッシング・クリーニング 

844 ダメージ・プロセスモジュール 

8.4 プ ラ

ズ マ エ ッ

チング 

845 エッチング装置および制御技術 

851 ナノチューブ 

852 フラーレン及び微粒子 

853 プラズマナノ加工 

854 有機・バイオナノプロセス 

8.5 プ ラ

ズ マ ナ ノ

テ ク ノ ロ

ジー  855 その他のプラズマプロセスによるナ
ノテクノロジー 

861 原子分子・放電過程 

862 光源及びディスプレイ 

863 プラズマ環境応用 

864 新しいプラズマ応用 

8.6 プ ラ

ズ マ 現

象 ・ 新 応

用・融合分

野 865 その他のプラズマ現象 
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トピックス 

「プラズマ･プロセス技術」アカデミックロードマップ 

名古屋大学 関根 誠 

 
応用物理学会では経産省の委託を受け，将来ビ

ジョン事業としてアカデミックロードマップの作

成を 19 の技術クラスターに分けて進めました．昨

年度末に中間報告 (http://www.meti.go.jp/policy/ 
kenkyu_kaihatu/18fy-pj/applied-physics.pdf)を行い，

今年度は最終報告をまとめます。 
 当分科会は「プラズマ・プロセス技術」クラス

ターとして幹事が中心となり検討しました。非常

に広範な技術分野ですので、共通基盤として「制

御技術」，「計測技術」，「シミュレーション」，応用

技術として「Si･無機系製膜」，「C･有機系製膜」，

「微細加工」の 6 テーマに分けて議論を進め，そ

れぞれサブマップを作成，それらを統合してメイ

ンマップとしました．下記はそのメインマップを

展示用にビジュアル化したものです． 

 ロードマップの横軸は現在から 2040 年にかけ   

けての時間、縦軸は応用製品･サービス、それを実

現する生産技術、さらにその原理的基盤となるシ

ーズ･基盤研究を示しています。現在のシーズはど

のように将来製品へ繋がるか（エンジニアリング

の領域）をマップの右上と左下を繋ぐ対角線の両

側から検討しました．さらに将来必要な技術の学

術基盤，原理の研究（左下から右へ向かうサイエ

ンスの領域）を議論しました． 
 ARM にはいろいろな活用方法があり，分科会

会員の皆様の一助となればと存じます．ぜひご意

見を賜り，今後 2 年毎に行われるローリングにも

参加いただければと思います． 
 最後に ARM の作成にご尽力いただいた畠山幹

事長を始め作成委員の皆様にお礼申し上げます． 
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研究室紹介（その４１） 

北海道大学 集積プロセス学研究室 

   大学院情報科学研究科 須田善行 

 
１．研究科ならびに研究室の概要 

 札幌駅からほどない距離にある北海道大学正門

から緑豊かな北大キャンパス（図１）を歩くこと

約 15分，工学部（大学院工学研究科）の建物に到

着します．当研究室は，以前は大学院工学研究科

に所属しておりましたが，2004（平成 16）年の大

学院情報科学研究科の発足に伴って情報科学研究

科の所属となり，研究室名も現在の名称となりま

した． 

情報科学研究科（図２）は以前の工学研究科に

所属していた電子・システムおよび情報系の専攻

から設立されたもので，６専攻（複合情報学，コ

ンピュータサイエンス，情報エレクトロニクス，

生命人間情報科学，メディアネットワーク，シス

テム情報科学）19講座（協力・連携講座含む）か

ら構成されております．当研究室が所属する情報

エレクトロニクス専攻は，次世代情報通信処理シ

ステムの基盤となるハードウェア技術の創出およ

び開拓，またそれらを担う人材育成を目的として

おり，新しい発想に基づいた材料から，デバイス， 

 

 

図１ 北大 13条門の銀杏並木．11月 3－4日は歩

行者天国となり，多くの人で賑わいました． 

回路・システムアーキテクチャ，光・テラヘルツ

ネットワークにまでわたる総合的な研究開発を推

進しております．21 世紀 COE では，平成 14 年度

から５年間に渡って展開された「知識メディアを

基盤とする次世代 ITの研究」が昨年度で終了し，

新たに本年度からグローバル COE「知の創出を支

える次世代 IT基盤拠点」が採択されております． 

当研究室の前身は，工学部電気工学科の電気応

用工学講座（田頭博昭研究室）で，平成７年の大

学院重点化（集積電子材料工学分野），平成 16年

の情報科学研究科設置（集積プロセス学研究室）

と２回の改組・改称を経て現在に至っております．

スタッフは教授 酒井洋輔（副研究科長），准教授 

菅原広剛，助教 須田善行の３名です．学生は博

士課程２名，修士課程９名，学部生４名で，スタ

ッフと合わせて総勢 18名となっております． 

 

 

図２ 情報科学研究科棟 
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研究テーマとしては，プラズマを利用した材料

プロセスや材料応用，プラズマのコンピュータシ

ミュレーションなどについて取り組んでおります．

以下に，それぞれの研究テーマについて紹介いた

します． 

 

２．研究内容 

（１）非晶質フッ化炭素膜のプラズマプロセスな

らびに絶縁耐力向上 

非晶質フッ化炭素高分子（CF）膜は低誘電率，

高絶縁破壊強度，低表面エネルギー，化学的に不

活性という優れた電気的，化学的特性を持ち，高

い工業的価値と幅広い応用が期待される物質です． 

応用例の一つとして，微細化の進むULSIの信号

伝達遅延や消費電力の低減を目的とする層間絶縁

膜としての活用，温室効果ガスとして懸念される

SF6絶縁ガスと組み合わせその使用量を低減する

電力機器の複合絶縁方式への利用などが考えられ

ます． 

当研究室ではプラズマ支援化学気相堆積法によ

りCF膜の堆積を行っています（図３）．高分子量

の材料（C7F16，C8F18）を用いている点が当研究室

の特徴で，CF4などの低分子量材料の結果に比べて

約 10倍の堆積速度でありながら 2 MV/cmという高

い絶縁耐力を実現しております．また，表面にCF

膜をコーティングした電極対で絶縁破壊電圧を測

定したところ，絶縁破壊電圧の大幅な向上が見ら 

 

 

図３ CF 膜プラズマ CVD 装置 

 

図４ 窒素ガス雰囲気での球対球電極の絶縁破壊

電圧測定結果．Al電極（点線）に対して，CF膜を

コーティングした電極（実線）では絶縁破壊電圧

が増加しているのがわかる． 

 

 

図５ Si 基板上に２層成膜した CF 膜の走査電子

顕微鏡による断面像と表面像(左上) 

 

 

れました（図４）．現在では，CF 膜の堆積メカニ

ズム，気相反応，表面反応機構およびそれらが膜

特性に及ぼす影響について，さらには膜の粗粒構

造（図５）を制御した上で比誘電率低減と絶縁性

能向上の両面を狙った研究を推進しております． 
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（２）カーボンナノチューブのプラズマプロセス

ならびに成長のモデル化 

 カーボンナノチューブ（CNT）は直径が 1 nmと

いう超微細な構造から将来の電子デバイスの基盤

材料として期待されております．当研究室では

CH4/H2混合ガスプラズマ支援化学気相堆積により

得られるCNT（図６）の成長機構を調べています．

当研究室にて長年研究されてきたプラズマ解析技

術を利用して，プラズマ中で分解され，触媒表面

に入射したのち内部に取り込まれる原料炭素分子 

 

図６ プラズマ支援化学気相堆積法によって合成

した垂直配向カーボンナノチューブの走査電子顕

微鏡像と透過電子顕微鏡像(左上) 

 

 

図７ 異なるCH4/H2ガス混合割合にてCNTを成長

させた実験ならびに解析結果．H2混合割合が増加

するにつれて，CNTを構成する炭素原子数（実験）

が減少する傾向が解析結果とよく一致している． 

数を求め，実際に CNT を構成する炭素原子数を走

査型ならびに透過型電子顕微鏡分析により調べた

ところ，両者がほぼ一致するという結果を得まし

た（図７）．これを足がかりに，基礎的ではありま

すが非常に重要と思われる，プラズマ中で発生す

る様々な粒子が CNT へと成長していく過程，CNT

の前駆体，プラズマが CNT へ及ぼす影響等につい

て調べております． 

 

（３）プラズマのモデリング：基礎理論と数値解

析 

半導体集積回路のプロセスでエッチングに用い

られるCF4を中心として，ガス中の電子伝導特性の

解析や，関連するガスプラズマのシミュレーショ

ンを行なっております．様々な条件に設定した電

界・磁界の下でのガス中電子輸送（図８，９）， 

 

stationary
points

electrons

|v| = vm

vx

vy vy

vz
vx

(B) (B)

(−E)

(E×B)

(E×B)

vx = E/B(vx,vz) = (E/B,0)

 

図８ Ｅ×Ｂ場における電子運動のモデル 

 

 

図９ Ｅ×Ｂ場における電子運動の計算結果 
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プラズマ応答特性解析といった基礎的テーマから，

ns オーダの衝撃電界による電子衝突過程の選択

的制御の可能性探求といった少し先の技術を見込

んだテーマ，そしてシミュレーション技法・アル

ゴリズム開発など，理論と数値計算を通じてプラ

ズマの研究に取り組んでおります． 

 

（４）レーザアブレーションによるカーボンナノ

ファイバプロセス 

当研究室でのナノカーボンプロセス研究は， 平

成 11 年にプラズマとレーザアブレーションとを

同時に発生する「プラズマ支援レーザアブレーシ

ョン装置」の導入を機に始まりました．当初はナ

ノメートルサイズのカーボン微粒子や sp3結合を

多く含むカーボン薄膜をプロセスしてきましたが，

最近では，紫外線レーザによりアブレートされる

炭素原子分子群をCNTの金属触媒に照射するとど

うなるかという興味を持って実験を進めておりま

す．これまでに，カーボンナノファイバの合成を

確認しております． 

 

３．活動内容 

 研究活動では，実験・計測と理論モデル構築・

計算機シミュレーションといった多方面からアプ

ローチする研究スタイルを取っており，合同ゼミ

ナールや研究打ち合わせといった時間を大切にし

ております．これまでに外国人研究者や社会人博 

 

 
図 10 レーザ熱化学気相堆積により合成したカ

ーボンナノファイバ 

士課程を幅広く受け入れてきまして，学生のみな

らずスタッフも良い異分野交流を図っております．

平成 16年には第 21回プラズマプロセシング研究

会，昨年 10月にはアジア放電会議（ACED2006）を

北海道大学にて開催（現地実行委員長：酒井教授）

し，多くの研究者を本学にお迎えすることができ

ました． 

 

４．あとがき 

 紹介しました研究については，科学研究費なら

びに財団からの研究助成を受けております．また，

日頃よりたいへんお世話になってなり，ご指導頂

いている方々にこの場をお借りしてお礼を申し上

げます．このような研究室紹介の場を頂きました

プラズマエレクトロニクス分科会ならびに幹事の

皆様，分科会会報担当の布村先生に感謝申し上げ

ます． 

 

ホームページ 

http://mars-ei.eng.hokudai.ac.jp/ 
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海外の研究事情（その２３） 

スウェーデン王立研究所滞在報告 

佐世保工業高等専門学校 川崎仁晴 

 

はじめに 

平成 18年 10 月から平成 19年 9 月まで、九州産

業財団の人材育成助成事業の長期留学プログラム

を利用して、スウェーデン王立工科研究所、グリ

シン教授のもとで、在外研究を行いました。また、

9 月には中国北京大学および韓国全北大学にも赴

き、研究室の見学などを行いました。九州産業財

団の人材育成助成事業とは、九州地域の産業技術

の向上、振興を図るため、九州地域の大学及び工

業高等専門学校の工学系、特に電力、エネルギー

関係分野を専攻する教員及び博士課程の学生の海

外渡航費用等を助成するもので、長期留学（１年）、

短期留学（原則として３ヶ月または６ヶ月）、国際

研究集会参加（１週間程度）の 3種類があります。

私が利用した長期留学プログラムは毎年 2～3 名

の研究員が採択されており、若手研究者育成に非

常に有意義な取り組みだと思います。この場を借

りて、謝意を表したいと思います。 

ここでは、在外研究のほとんどを過ごしたスウ

ェーデンのストックホルムの様子と王立工科研究

所での研究生活に関して詳細に述べたいと思いま

す。訪問した他の大学や、詳細な研究の内容に関

しては別の機会に報告させていただくことにしま

す。また、内容は多分に私の個人的な意見であり、

正確ではない点が多分に含まれていることを最初

にお断りいたします。 

 

ストックホルムの概要 

スウェーデン（正式な日本語名はスウェーデン王

国）は北緯60度のスカンジナビア半島の中央、東側

に位置する立憲君主制の国であり、王国とはいえ国

王は国家の象徴であり、儀礼的職務のみを行います。

そういう意味では日本に似ているため、日本の皇室

とも非常に交流が深く、在端中に天皇陛下がいらっ

しゃいました。政治的には、以前は、ノルディック

バランスと呼ばれる中立主義政策をとっていまし

たが、冷戦終結後の1995年には欧州連合 (EU) に加

盟しました。しかしながら通貨はユーロではなく未

だにクローナが用いられています。 

私が滞在したストックホルムは、スウェーデンの

首都ですが、人口が約180万人で東京23区の人口の1

割強程度となっています。交通機関は電車とバスが

市民の足となっており、これらが使えれば生活に困

ることはありませんでした。日本同様、ボルボ、サ

ーブといった国産の自動車メーカがあるため、自動

車も非常に多く、朝夕は所々で渋滞が起こっていま

したが、日本のそれとは比べものになりませんでし

た。スポーツはサッカー、アイスホッケー、スキー

一般、卓球、バドミントンなどが盛んで、特に卓球

は日本の野球のようにテレビ放送が良くあってい

ました。私の趣味の野球はマイナーでしたが、メジ

ャーリーグの放映はあっていましたので認知はさ

れているようでした。 

 

スウェーデン王立工科研究所での生活 

研究は、スウェーデン王立工科研究所（Kungliga 

Tekniska Högskolan：KTH）で行いました。メイン

キャンパスは、ストックホルム市の中心にあるキャ

ンパスで1917年以降かわらぬ、煉瓦作りの非常に風

格がある建物で、国の重要文化財指定を受けている

そうです。私がいたのは、そこから電車で30分ぐら

写真１ ウプサラ大学 
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写真３ 使用した PLD 装置 

いのところにあるKistaというところにある別の建

物で非常に新しいものでした。この王立工科研究所

はスウェーデン国内の工学研究の3分の1が行われ

ている、スウェーデン最大の工科大学です。世界各

地に協定校がありますが、特にヨーロッパ、アメリ

カとの学術交流が盛んのようです。 

こちらの教育制度に関して少し話をしておきま

す。スウェーデンの公用語はスウェーデン語ですが

学内の公用語は英語で講義もすべて英語で行われ

ています。私が見学した講義はレベル的には日本の

大学3～4年程度で内容はそれほど難しくはないで

すが、講義中によく教授から質問があったり、逆に

学生から質問があったりで、講義と言うより日本の

ゼミのような感じでした。日本と異なり、ほぼ毎時

間レポート（宿題のようなもの）が大量にあるので、

学生は大変のようでした。 

私のいたグリシン研究室は、ロシア、ウクライナ、

ベラルーシ、イタリア、フランス、韓国そして日本

と多様な国から来た学生が共同して研究を行うと

ころで、国際色豊かな研究室でした。そのため様々

な国の文化を学ぶことができ、国際感覚を養う上で

は非常に有益でした。言語に関しては英語が基本で

あったので、日常の簡単な会話にはそれほど困らな

いのですが、私の英語力の貧弱さとほぼ全員が母国

語ではことから細かいニュアンスが難しく何度も

誤解を生じてしまったのは残念でした。言葉の壁は

やはり大きいと感じました。 

お世話になったグリシン教授は非常に研究熱心

な方で、毎日遅くまで研究されておられました。専

門は磁性体で、パワーエレクトロニクス用の磁性材

料や光磁気フォトニック結晶を利用した記憶装置

等を主に研究されています。私はこのうち光磁気フ

ォトニック結晶のための積層薄膜作製の研究をお

手伝いいたしました。日本のように沢山の実験デー

タから結論の導き出すのではなく、1つの実験結果

から沢山のことを理論的に考えるやり方でした。 

日本の大学や高専と大きく異なる点として、研究

スペースにお金が必要であることです。すなわち、

実験室1スパンに対して年間いくら、学生の居室に

は1スパンに対して年間いくら・・・というように

決められており、自分の研究費から教授が支払わな

ければならないのです。また、当然博士課程の学生

にも“給与”を払わなければならず、研究室運営

に大金がかかります。そのため、多くの研究者が

企業と組んで研究費を捻出しているようでした。

実際に、Kistaの王立研究所内には、多くの企業の

研究期間があり、大学側の教授が顧問などを努め

ていました。 

それから、研究面で意外なプラスになった点は、

著名な日本人研究者の講演を聴くことができた点

です。１８年１２月には外村彰先生、１９年６月

には西澤潤一先生、伊賀健一先生、小山二三夫先

生の講演を間近に聞くことができ、詳細な議論も

することができました。こういうことは日本では

 

 

写真２ 私の居室（Kista 校内） なかなか無いことで、日本とスウェーデンとの
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JSPSを中心とした学術研究交流が、活発に行われて

いることが大きな要因だと思います。今後も是非続

けてほしいと思いました。 

 

スウェーデン人の生活 

研究はこれくらいにして、スウェーデンの生活に

関する話に戻りたいと思います。以降は、教育者・

研究者として見た私の感想をもとにスウェーデン

人の生活を書いていきます。スウェーデンといえば、

まず思い浮かべるのは豊かな福祉国家として世界

の注目を集めていることです。これは、長い間社会

民主労働党政権の下で社会保障制度が構築された

ことが1番の要因ですが、スウェーデン人の気質に

も要因があると思います。こういった高い福祉制度

のため、比較的低所得者層、高齢者、障害者、失業

者等、社会的弱者もあるレベル以上の生活をするこ

とが保障されますし、その結果として、犯罪率も他

のヨーロッパ諸国に比べれば、まだ低いようです。 

教育にも非常に力を入れており、ほとんどすべて

の学校が、授業料無料です。教育（授業）のレベル

も非常に高く、教育者には、それ以外の負荷（日本

での行われるような課外活動やイベント）をかけず

に授業に集中させる制度をとっている。小学校では

成績を付けないということもあり競争意識が少な

い。親も教育熱心で、あまり叱ることをせず、好き

なことをのびのび勉強させている。そのため、授業

が本当に楽しいと感じている学生が多く、子供の学

習能力も常に世界のトップレベルにあります。 

このような教育制度のためか、独創的な研究をす

る創造的な研究者が、この国には非常に多いと思い

ます。心臓のペースメーカー、脳外科用レザーメス、

クルマのシートベルト、安全マッチ、ボールベアリ

ング、カメラ、ファスナー、エアコン用コンプレッ

サー、真空掃除機・・・これらはすべてスウェーデ

ン人の発案品です。これらを見てお気づきの方も多

いと思いますが、これらの多くは、現在では日本で

多く作られているものです。つまり、考えることは

スウェーデン人が得意であるが、それを具現化する

のは不得意です。逆に、幼い頃から競争社会に組み

込まれ、両親から厳しくしつけられた日本人が得意

である・・・非常におもしろい傾向だと思います。

世界中の研究者のあこがれであるノーベル賞授賞

式がこの国で行われ、一方で、エリクソンとソニー

が合併したというのもそのような国民性の違いが

要因になったのではないかと考えられます。 

また、スウェーデンのイメージとしてもう一つ昔

から有名であるのが、性の平等だと思います。実際、

この国では女性の就業率が高く、子供を産んでも働

く女性が非常に多いと感じました。研究所にも、“工

学研究所”であるにもかかわらず女性研究者、女子

学生が多くいました。日本では、大学や高専の目標

として、何処も教員の２割程度を女性教員にするこ

とが掲げられていますが、現実には１割未満である

のに対し、スウェーデンでは、なんと５割を目標に

しているようです。 

最近のスウェーデンのイメージは、環境先進国で

あるということだと思います。実際に、ストックホ

ルムは非常に美しい街で、清掃が行き届いていまし

た。しかし、これらはすべて国の政策として行われ

ていて、市民一人一人が環境に気をつけているとい

うわけではありませんでした。例えば、ゴミの分別

は、一般市民が捨てるときに厳密にやっているとい

うわけでなく、とてもおおざっぱだし、たばこはポ

イ捨てが基本ですし、早朝は道にゴミが散乱してい

ました。しかし、昼過ぎになると、道もきれいだし

ゴミも分別されています。これらは国が雇い上げて

いる清掃業者が、きちんと清掃しているとのことで

した。逆に言うと、国を挙げて環境面に気を遣って

いるということで今後日本も見習うべき点ではな

いかと思いました。また、ゴミの焼却なども非常に

良く管理されていてダイオキシンをほとんど出さ

ないとのことです。このほかにもバイオガスを利用

したバスなど環境に優しい公共の交通機関や、自転

車道がきちんと発達していることなどは参考にな
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写真４ スウェーデンの街並 



ると思います。スウェーデンでは時代状況の変化に

対応し、簡単に法律が変更されています。そのため、

スウェーデン人は法律が変わるのにはとても慣れ

ているようです。 

 

スウェーデン生活の注意点 

これまでは、スウェーデンで感じた良い面ばか

りを書いてきましたが、閉口した事、困ったこと

もたくさんありました。それについても記載でき

る範囲で書いておきます。 

こちらにきてまず感じるのは物価の高さだと思

います。個人的には、何もかも高かったという印

象です。現在のレートは 1クローナ＝17～18 円な

のですが、実際には、さらにその倍ぐらいに感じ

ます。8畳 1間の部屋の家賃がだいたい 4000 クロ

ーナ、お昼ご飯が 60～80 クローナ、ジュース 1

本 12 クローナ・・・。日本では考えられない高さ

です。高い福祉制度と引き替えの高負担（消費税

は２５％）は考えている以上でした。 

それから食事の面、こちらでは主食が芋で、か

なり大味なチキンやサーモンなどをおかずにして

食べるのですが、個人的に私に口には合いません

でした。日本食のレストランもあるのですが、前

述のように高価ですし、こちらの人向きに味付け

してあるので、やはり大味でした。寿司屋も驚く

ほど多くあったのですが、大半は日本人ではない

人が握っているので・・・。そういう面では、今

後こちらに長期留学を考えている人は、自炊・手

弁当するなど工夫した方がよいと思います。 

文化の違いや言葉の問題からいろいろと、誤解を

まねく事も多々ありました。よかれと思ってしたこ

とが悪く思われたり、失礼だと思ってやらなかった

ことがするべきことであったり、戸惑うことは多く

ありました。私のいた研究室は、多くの国から人が

来ていたので、それぞれの国の文化があり、いろい

ろと困ったことがありました。私との会話で学生が

怒って食事中にもかかわらず出て行ったこともあ

りました。理由は未だにわかりません。また、私（日

本人）の行動がおもしろいらしく、例えば、お辞儀

や挨拶、名前の呼び方（向こうでは教授を呼ぶ時も

ファーストネーム）等々、感心されたり、からかわ

れたりいろいろでした。（日本人というと、

Japanese Girl？といって笑われたのは、未だに理

由がわかりません。）私の社交性のない性格と英語

能力の低さが原因なのでしょう。まあこれらも、今

になっては、思い出の一つです。 
  

終わりに 

ここでは、私が個人的に感じたことを、とりとめ

もなく書いてしまいました。多分に間違っているこ

ともあるかもしれません。また、「海外の研究事情」

というタイトルには、ふさわしくなかったかもしれ

ません。この場を借りて、お詫び申し上げます。 

スウェーデンで一番感じるのは時間がゆっくり

進んでいるということでした。日本の様な朝のラッ

シュもなく、走っている人も少ないです。時間的な

ゆとりがあるためか、ほとんどの人が非常に親切な

人が多かったです。人々は、自分の欲求を満たすた

めに仕事（研究）をし、家庭を大切にし、余暇を大

切にしていました。毎日５時には帰宅し、土曜の学

校は閑散としていました。また、１年間いたので夏

の日の長さ、冬の日の短さも感じることができまし

た。今になって考えると、もっと学外で見聞を広め

た方が良かったのではないかと感じています。向こ

うにいるときは、いろいろといやなこともありまし

たが、良い経験になりました。若い方々は、是非海

外に出て、客観的に日本を見るのも良い経験になる

と思います。 

最後になりましたが、このようなチャンスを作っ

ていただいた人材育成助成事業の諸氏、佐世保高専

のスタッフの方々、手助けをしてくれた家族や友人

に感謝致します。ありがとうございました。 
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国際会議報告 
The 18th International Symposium on Plasma Chemistry / 

IUPAC Summer School on Plasma Chemistry 報告 
 

京都大学 橘 邦英 
 
1. ISPC-18 

2007 年 8 月 26 日～31 日に，京都大学にて第 18
回 プ ラ ズ マ 化 学 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム （ 18th 
International Symposium on Plasma Chemistry，略称

ISPC-18）が国際純正・応用化学連合(IUPAC)，応

用物理学会，日本学術振興会プラズマ材料科学第

153 委員会の主催で開催された． 
この会議は 2 年ごとに開催されている会議で，

プラズマ化学分野の最新の研究成果が総合的に発

表される国際会議である．今回の会議は，1987 年

に第 8 回会議が東京で開催されて以来，20 年振り

の日本での開催となったが， 671名（国内 334名，

国外 337 名）の参加者を得た．表 2 に示す通り，

日本での開催にも関わらずフランス(40)，アメリ

カ(35)，韓国(33)，チェコ(28)，ドイツ(26)，カナ

ダ(25)をはじめとする海外からの多数の参加者に

恵まれ，活発な成果発表・議論が展開された． 
分野毎の発表件数は表 1 の通りである．⑧のポ

リマーの成膜や表面処理に関する講演や，⑦や⑪

の熱プラズマを用いたコーティングや材料合成等

のプロセシングに関する講演の件数が多いのが本

会議の従来からの特徴である．近年の特徴として

は，③の大気圧や液体などの高密度媒質における

放電・プラズマ現象に関する発表が増えており，

④マイクロプラズマ，⑬バイオ・医療応用，⑭環

表２　国別参加者統計

招待 オーラル ポスター 合計
1 Japan 334 7 42 213 262
2 France 40 2 24 48 74
3 USA 35 6 15 21 42
4 Korea 33 1 4 22 27
5 Czech Republic 28 1 5 29 35
6 Germany 26 2 14 18 34
7 Canada 25 2 11 18 31
8 China 16 0 5 31 36
9 Italy 16 2 12 13 27

10 Romania 15 1 1 19 21
11 Taiwan 15 0 3 14 17
12 Switzerland 10 2 4 4 10
13 Russia 9 1 5 24 3
14 UK 7 1 3 4
15 Thailand 7 0 1 6
16 The Netherlands 6 0 5 4
17 Belgium 6 0 2 4
18 Hungary 3 0 1 6
19 Mexico 3 0 0 5
20 Norway 3 0 1 2
21 Sweden 3 1 0 2
22 Finland 3 0 0 2
23 Spain 2 0 1 7
24 Australia 2 2 1 4
25 Kazakhstan 2 0 0 5
26 Iran 2 0 0 4
27 Poland 2 0 0 4
28 India 2 0 1 2
29 Turkey 2 0 1 2
30 Austria 2 0 1 1
31 Portugal 2 0 0 2
32 Slovakia 2 0 0 0
33 Serbia 1 0 0 3
34 Kyrgyz 1 0 0 2
35 Ukraine 1 0 0 2
36 Denmark 1 0 0 1
37 Vietnam 1 0 1 0
38 Luxembourg 1 0 0 0
39 Netherlands Antilles 1 0 0 0
40 South Africa 1 0 0 0

671 31 164 548 743

発表数
国名 参加者数No.

表１　分野別発表件数統計

No. Topics 国内 国外 合計

○ Plenary Lectures 0 4 4

①
Fundamentals of plasma-surface
interactions 20 35 55

②
Diagnostics and modeling
in plasma chemistry 25 49 74

③
Non-equilibrium effects and atmospheric
pressure plasma processes 22 46 68

④ Microdischarges and microplasmas 39 18 57

⑤
Plasma sources:
designs and characterizations 19 37 56

⑥
Plasma processing for micro electronics
and mechanics 17 14 31

⑦
Plasma deposition of inorganic films
and hard coatings 18 35 53

⑧
Plasma deposition and treatment
of polymers 18 70 88

⑨ Clusters, particles and powders 19 22 41

⑩ Plasma chemical syntheses 12 32 44

⑪
Plasma spray and thermal plasma
material processing 18 32 50

⑫
Plasma aided combustion and
aerodynamics 3 17 20

⑬ Biomedical applications 10 32 42

⑭
Environmental applications: waste treatment
and abatement, cleaning, recycling, etc. 20 34 54

⑮
Industrial Workshop
Plasma Recycling 2 4 6

合計 262 481 743

0
8
7
9
6
7
5
3
3
2
8
7
5
4
4
3
3
2
2
0
3
2
2
1
1
0
0
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境応用なども大気圧プラズマを用いていることを

考慮するとかなりの比率と言える． 
その大気圧プラズマのセッションでは，マイク

ロプラズマの一つとして注目されている微小プラ

ズマジェットに関する成果が多数報告された．特

に，電池駆動可能なプラズマペンなどの具体的実

用デバイス提案もあり，今後の展開が期待される．

その用途についても，従来の疎水・撥水化などの

簡単な表面処理に加えて，生体組織の止血に用い

る等の新しい展開がなされている． 
こうしたプロセシング用ではなく，蛍光灯や

PDPのようにプラズマ自身がデバイスとして最終

製品にとなる用途も模索されている．具体的には，

マイクロプラズマをアレイ状に集積したアドレッ

サブル面発光デバイス，プラズマの誘電性が動的

に可変であることに注目した電磁波制御デバイス，

電極をフレキシブルな織物構造にしたデバイス，

マイクロ流路中に微細放電空間を設けたマイクロ

リアクターなどが挙げられ，将来の実用化が期待

される． 
更に高密度な媒質である液中のプラズマに関す

る発表も増えてきた．具体的には，微細な泡をガ

ス流または気化によって液中に発生させ，気泡中

のプラズマと液体との相互作用により物質合成

（DLC や金属ナノ微粒子），液中不純物の除害な

ど，と応用先行型の報告が目立った．大気圧プラ

ズマが各種診断ツールやモデリングによって分析

されている状況と比べると，液中に関しては基礎

的理解がまだ十分ではなく，今後の展開に期待し

たい． 

写真１．京都大学時計台記念館(主会場)を臨む大学正門前． 写真３．時計台大ホールでの口頭発表の様子． 

写真２．時計台記念館二階の受付の様子． 写真４．ローム記念館(桂キャンパス)での口頭発表の様子． 
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本会議では，8 月 30 日に懇親会(参加者数 356
名)を市内のウェスティンミヤコホテルにて開催

した．本会議では，長年にわたって本研究領域の

発展に貢献した研究者 1 名が国際プラズマ化学会

の運営委員会メンバーによって選ばれ，懇親会の

席で「プラズマ化学賞」が贈られる．今年はプラ

ズ マ 重 合 分 野 の 発 展 に 貢 献 し た Riccardo 
d'Agostino 教授(イタリア，Bari 大学)に贈られた． 
なお，本会議の最終日には，Kyoto Protocol発祥

の地であることも鑑み，貴金属等の資源リサイク

ルとCO2削減に特化した環境応用に関する「産業

応用ワークショップ」が企画された．日本，韓国，

米国，スイス，オーストラリアの産業界や公的研

究機関などからの講演とパネル討論で構成され，

最終日であるにもかかわらず多数の参加者を得て，

本分野の将来性への期待が感じられた． 

本国際会議においては，低圧プラズマ・熱プラ

ズマ・大気圧非平衡プラズマ・マイクロプラズマ

などをツールとして，半導体・ナノテク・バイオ・

医療・環境といった社会的に見て注目度の高いテ

ーマを扱っており，その領域をさらに拡大してい

く上で異分野との関連が益々深まっている．また，

これらのどの研究分野においても，多くの日本の

研究者が活躍していることがわかった． 
次回の ISPC-19 は，2009 年にドイツの Ruhr 大

学 Bochum 校で開催される．急速に展開する研究

の動向を先取りし，今後も日本でのプラズマ応用

研究が最前線を先導することが期待される． 
 

2. Summer School 
ISPC では毎回開催日程に合わせて併設の

IUPAC Summer School on Plasma Chemistry が実施

されている．今回は，ISPC-18 開催前の 2007 年 8
月 23 日～25 日にコープイン京都にて，国際純正・

応用化学連合，日本学術振興会プラズマ材料科学

第 153 委員会の主催で開催された．応用物理学会

表３　サマースクール講義内容と講師陣

A Mini-course on The Principles of Low-pressure
Discharges and Materials Processing
 Michael A. Lieberman (UC Berkeley, U.S.A.)
EEDF Formation in Plasmas
 Ken-ichi Nanbu (Tohoku University, JAPAN)
Diagnostics of Plasma Parameters - Electrical Methods -
 Hideo Sugai (Chubu University, JAPAN)
Diagnostics of Plasma Parameters - Optical Methods -
 Uwe Czarnetzki (Ruhr-University Bochum, GERMANY)

Magnetron Sputtering Technology
J. -G. Han (Sungkyunkwan University, KOREA)
Plasma Modifications of Polymers
Riccardo d’Agostino (University of Bari, ITALY)
Plasma Etching
 Koichi Ono (Kyoto University, JAPAN)

Collisional-radiative Processes and Thermal Equilibrium
States
Daniel C. Schram (Eindhoven University of Technology,
THE NETHERLANDS)
Thermal Plasma Modeling
 Joachim Heberlein (University of Minnesota, U.S.A.)
Thermal Plasma Applications
 Pierre Fauchais (University of Limoges, FRANCE)

Atmospheric Pressure Plasmas - Basics -
 Françoise Massines (CNRS - PROMES, FRANCE)
Atmospheric Pressure Plasmas - Applications -
 Alexander Fridman (Drexell Plasma Institute, U.S.A.)

12

13

8

9

10

11

Fundamentals 

Low-Temperature Plasmas 

High Temperature Plasmas 

Atmospheric Pressure Plasmas 

1+2

3

4

5

6

7

写真５．ポスターセッションの様子． 

写真６．懇親会の様子． 
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プラズマエレクトロニクス分科会には，共催を頂

くとともに，これまでに分科会独自で実施してき

たサマースクールとの関係の調整等にて多大なる

ご尽力を頂いた． 
本サマースクールでは，前回までの 5 日間に及

ぶ講義を 3 日に集約し，表 3 に示す通り，内容も

系統的にプラズマ化学の基礎から応用までを学ぶ

ことができるように配列した．更に，講師人につ

いても，講義毎にその分野で国際的に活躍してい

る一流の研究者を招聘した．特に，基礎の部分の

講義については，Principles of Plasma Discharges 
and Materials Processing の著者の一人として知ら

れる Michael A. Lieberman が講師を務めた．すべ

て英語による講義であるが，講師陣によるスライ

ド／テキストはよく吟味されており，価値有る資

料となっている． 
結果として，これまで数十人規模の参加者であ

った ISPC 併設サマースクールが，今回は表 4 に

示す通り 107 名という多数の受講者に恵まれた．

日本での開催であるために，日本からの参加者が

半数以上を占めることは予測されたが，約 32%の

外国人の受講者を得ることができた．また，高名

な講師陣と学生や若手研究者たちが親しく接する

場として企画された京の町屋でのグループディナ

ーも好評を博し，本スクール後に開催されたシン

ポジウム開催期間中における活発な討論のための

潤滑油の働きをしたものと考えられる． 
 

 

写真７．スクール講義の様子（右：菅井先生） 

写真８．懇親会の様子（左 M.A.Lieberman 先生, 右 U.Czarnetzki

先生） 

写真９．町屋での懇親会の様子（P. Fauchais 先生のグループ） 

表４　国別サマースクール参加者統計
No. 国名 一般 学生 総計
1 Japan 21 51 72
2 Korea 3 7 1
3 Taiwan 2 4
4 France 3 1
5 Iran 1 1
6 Canada 2 2
7 USA 1 1
8 The Netherlands 1 1
9 Serbia 1 1
10 Italy 1 1
11 India 1 1
12 Germany 1 1
13 Finland 1 1
14 Denmark 1 1
15 Czech Republic 1 1
16 Belgium 1 1
17 Austria 1 1

総計 35 72 107

0
6
4
2



国際会議報告 

第6回アジア－ヨーロッパ プラズマ表面工学国際会議 

The 6th Asian-European International Conference on  
Plasma Surface Engineering (AEPSE 2007) 

長崎大学生産科学研究科 藤山 寛 

本国際会議は，2007 年 9 月 24 日（月）から

29 日（土）まで 6 日間にわたり，長崎港からフ

ェリーで 20 分の天然温泉リゾート「やすらぎ

伊王島」にて開催されました． 

 
写真 1：やすらぎ伊王島のエントランス 

多数の反対を押し切って，参加者が船で移動

しなければならない会場（島）を選んだため，

台風などお天気が心配でしたが，幸い会期中は

ずっと快晴に恵まれ，実行委員会としては胸を

なでおろしました．参加者の皆様も，天然温泉

とともに海辺のリゾート気分を満喫されたの

ではないでしょうか． 
AEPSE は，隔年にアジア地域で開催され，今

回の AEPSE2007 で 6 回目です．この会議は、

ドイツで隔年開催されているプラズマ表面工

学国際会議（PSE，2008 年 9 月に第 11 回を開催

予定）のアジア版という位置づけで，これまで

韓国，中国，日本の順に開催されて来ました．

ヨーロッパ，特にドイツの伝統的な金属の表面

処理やコーティング技術と，アジアの半導体・

磁性体を中心とする電子材料・デバイスおよび

医療材料の表面処理・加工の研究・開発状

     
写真 2：会場（海の見えるホテル） 

状況を融合し，新たな科学の方向性を見出すア

ジアとヨーロッパを結ぶユニークな会議とし

て，近年国際的に高い評価を得ております． 
今回は，吉田教授（東大），財満教授（名大）

他５件の基調講演，18 件の招待講演を含め 89
件の口頭発表を 2 会場に分かれて行うととも

に，233 件のポスター発表がありました．特に，

プログラム委員会では，アジアのプラズマ関

連研究の特徴を出すために，平面ディスプレ

イとフレキシブルデバイスに関するワークシ

ョップを企画し，ヨーロッパの参加者の高い

関心を得ておりました． 
参加者は世界 27 カ国から計 344 名でした．

その内訳は，日本 147 名，韓国 103 名，ヨー

ロッパ 38 名，台湾 26 名，中国 11 名，その他

のアジア 11 名，アメリカ，オーストラリア，

ニュージーランド，ブラジル各 1 名でした．

今回は，台湾からの参加者が大幅に増えたこ

と，アジア諸国（India 1, Jordan 1, Singapore 1, 
Thailand 5，Vietnam 2）から代表者を派遣して

いることが前回大会（2005 年青島（中国））か

らの大きな変化です．このようなアジア地区
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のプラズマプロセス研究熱の高まりを受けて，

Asian Joint Committee on Plasma Surface 
Engineering (AJC/PSE)を組織し，この回の企画

運営母体とすることにいたしました．会期中

に，その設立総会を行い，次回以降の AEPSE
開催の主催団体とすることが決まりました． 
また，会議のお楽しみとして，26 日午後には

特別に仕立てたクルーザーによる軍艦島への

遠足を，また，27 日夜には，参加者全員がそろ

って中秋の名月を観ながらのアウトドアでの

夕食会を楽しみました．日頃お忙しくすごされ

ている参加者も，伊王島の自然の中で，ゆった

りと会議参加者相互の人的交流を図る機会と

なったのではと思います．  

 
写真 3：軍艦島（世界遺産への登録申請中） 

 
写真 4：船内の参加者の様子 

 

本会議で討論されたトピックス分野を以下

に列挙します． 

1. 保護膜，摩擦防止膜， などの機能性コーテ

ィング 

保護膜のコーティング，バイオ応用，ダイヤ

モンドライクカーボン(DLC)薄膜，金属，ナ

ノコンポジット，四元化合物，摩擦防止膜 

2. 電子機能性コーティング 

平面ディスプレイ，マイクロエレクトロニ 

クス，酸化亜鉛半導体 

3. プラズマプロセシングと表面処理 

プラズマプロセシング，プラズマ中の原子衝

突現象，イオン衝突，ナノカーボン，プラズ

マエッチング，プラズマ表面処理 

4. プラズマ源の開発とその診断 

新規プラズマ源，プラズマ源およびそのパ 

ラメータ診断，プラズマ診断 

5. 薄膜堆積コーティングのモデリングと分析 

プラズマコーティング，導電性酸化膜，プ 

ラズマＣＶＤ 

6. 産業応用 

環境応用，滅菌・殺菌，プラズマクリーニン

グ，太陽電池，電子デバイスほか 
 

展示会：プラズマ電源，プラズマ診断装置，

薄膜形成機器，真空機器，半導体関連，

など 6 社 
 
本会議のプロシーディングスは，Elsevier

社が発行する国際的学術雑誌である Surface 
Coating and Technologies 誌 (インパクトファ

クタ: 1.646)の特集号として発刊されます． 
次回は 2 年後の 2009 年に韓国で開催される

ことが決まっておりますので，プラエレ分科会

会員の皆様の参加を宜しくお願いいたします． 
 
おわりに，AEPSE2007 の企画・運営・実施に

あたられた皆様（多数のためお名前は割愛させ

ていただきます）の献身的なご助力に対し，本

報告文をお借りして，心より感謝申し上げます． 
 

（AEPSE2007 組織＆実行委員長） 
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国際会議報告 
第２９回ドライプロセス国際シンポジウム報告 

（株）日立製作所 中央研究所 伊澤 勝 

第 29 回ドライプロセス国際シンポジウム（ＤＰＳ

２００７）は、２００７年１１月１３、１４日の

２日間、電気学会主催、応用物理学会共催により、

東京青海の東京国際交流館にて開催された。一昨

年が韓国斉州島、昨年が名古屋開催で、久しぶり

の東京開催となった。参加者数、論文投稿数共に

多く、論文や議論の質も高く、国際シンポジウム

に相応した内容であった。 

トピックスは、昨年と同様に①プラズマ誘起表

面反応、②プラズマおよび反応表面の診断と計測、

③プラズマダメージ、④ウエット工程の表面反応、

⑤エッチング、ＣＶＤ、表面処理技術、⑥Ｌｏｗ

－ｋ、Ｈｉｇｈ－ｋ、新材料のドライプロセス、

⑦ＭＥＭＳ、⑧プラットパネルディスクプレイ、

⑨ナノテクとバイオ応用、⑩環境技術、⑪ドライ

プロセス装置技術、⑫新ドライプロセスである。

これに加え、今年度は、アレンジセッションとし

て「次世代マスク工程に対応したエッチング技術」

が設けられた。特に、新しいパターニング方法や

レジストマスクの多層化など半導体デバイスの微

細に伴う課題への取り組みが話題となった。全体

を通して、半導体製造プロセスなどのマイクロエ

レクトロニクス分野を中心に、新規分野へのドラ

イプロセスの応用も含むシンポジウムとなった。 

発表論文数は、口頭発表２７件（招待講演７件、

投稿論文２０件）、ポスター発表１１３件、総計１

４０件、（日本５８件、韓国５５件、ＥＵ１２件、

米国９件、日韓除くアジア６件）であった。 

参加者数は、２４３名（日本１４４名、韓国６

４名、ＥＵ１３名、米国１２名、他１０名）であ

り、活発な議論が行われた。今回は、当日配布の

予稿集のほかに、Japanese Journal of Applied 

Physics 特集号を出版する予定である。 

シンポジウムの冒頭では、ＤＰＳ２００６のア

ワード授賞式があり、ベストペーパー賞として、

日立の栗原氏他５名が、若手奨励賞として、IMEC

の E. Kesters 氏が表彰された。 

以下、本年度の論文および技術動向について説

明する。アレンジセッションでは、新しいパター

ニング手法として、IBMのZhang氏が招待講演で、

自己組織化材料を用いた 20nm 以下のエッチング

加工について報告。ホール加工の限界が実験およ

びシミュレーションから 5nm 程度であること、レ

ジスト変形がない加工技術がより重要になること

を説明した。LETI の Chiaroni 氏は、多層マスク

を用いたナノインプリントによる 50nm の加工に

ついて、三星の Yoo 氏は、エッチング装置におい

てウエハバイアスとガスの制御により、レジスト

マスクのホール径を露光時の径より小さくする技

術について報告した。 

エッチング時のレジスト耐性については、UCB

のGraves氏は招待講演にて、エッチング加工時の

ArFレジストの劣化メカニズムが、イオン照射、VUV

照射、温度の相乗効果であることを明らかにした。

ルネサスの田所氏は、多層レジストのカーボン膜

のエッチング耐性向上に向け、質量数の大きいイ

オン（As+）の打込みによるカーボン膜のDLC（ダ

イアモンドライクカーボン）化により耐性向上で

きることを報告した。同じくルネサスの篠原氏は、

Ar+打込みによるカーボン膜改質を用い、25nmの

FinFET形成について報告した。東芝の上夏井氏は、

カーボン膜中へFラジカルの拡散がマスク変形の

原因と解析し、フロロカーボンの堆積によりマス

ク変形を抑えるという報告であった。 

微細化に伴う課題である LWR（ライン幅ラフネ

ス）については、日立の山口氏は招待講演で、LWR

の計測方法とデバイス特性について言及した。ゲ

ート電極では LWR の長周期成分がデバイス特性を

ばらつかせるのに対し、配線加工では局所的な

LWR が配線の電気特性に影響することを示した。

フランス CNRS の Pargon 氏の報告は、HBr プラズ

マによりエーテル・カルボニル結合が除かれ LWR

改善が改善するメカニズムについての内容であっ

た。日立の田中氏は、下地構造起因の寸法変動、

 21



および BARC（反射防止膜）加工時均一性を考慮し

たモデルを用い、poly-Si（多結晶シリコン）電極

加工時のウエハ温度分布を最適化する手法につい

て報告した。 

表面反応のセッションでは、日立の森氏が HBr

プラズマによる poly-Si 加工について、イオン散

乱、サブトレンチ現象を考慮した形状シミュレー

ション解析について報告した。 

モニタリング・診断のセッションでは、Selete

の岩越氏が、リアルタイム膜厚モニタの薄膜メタ

ル材料加工への適用について、日立の横川氏が、

プラズマ発光分布モニタを用いた絶縁膜エッチン

グの分布制御、過渡状態の分布変動について報告

した。Lam Research の Delgadino 氏は、量産装置

の上部電極に埋込んだキャパシタ型プローブによ

りプラズマをモニタすることで、クリーニング終

点判定や装置診断が可能であることを報告した。 

MEMSのセッションにおいて、Illinois大学Eden

氏は、招待講演にて、ディスプレイやマイクロリ

アクタ向けに、自己組織化やレプリカ法でアルミ

薄膜に作成した数種のマイクロキャビティアレイ

について報告した。 

ナノテクとバイオ応用では、イタリア Bari 大学

Sardella 氏の招待講演は、抗菌作用のある薄膜形

成の技術に関する内容であった。プラズマ処理に

よる有機高分子膜内部へのナノサイズの銀クラス

タ形成と、銀の流出を防ぐバリア膜形成ついて報

告した。東北大学の橋本氏は、量子効果デバイス

応用に向けた鉄微粒子をマスクとした Si ナノデ

ィスクの加工について報告した。 

ＣＶＤ技術では、招待講演でSIDELのBoutroy氏

は、ペットボトルのO2,CO2透過を抑制するため、

数秒間のプラズマ処理によるペットボトル内面へ

のカーボン膜コーティング技術について報告した。

九大の岩下氏の報告は、パルスとAM変調プラズマ

を用い、SiOC ポーラスlow-k膜の成膜技術につい

ての内容であった。 

プラットパネルディスプレイでは、山形大の城

戸氏は招待講演にて、有機 EL デバイスの高効率化

と長寿命化に向けた発光層の多層化、発光層間へ

の電荷生成層形成、および蒸着技術について報告

し、白色発光デバイスの実演もあった。東北大の

佐藤氏は、アッシング工程時のUV光によるTFT（薄

膜トランジスタ）の劣化について報告した。広島

大の寄本氏は、多結晶シリコン膜にプラズマジェ

ットを用いるとレーザーアニールに比べ大幅に低

欠陥で電気伝導度が高い膜質になることを報告し

た。 

High-k、メタル材料の加工では、京大の上田氏

は、BCl3ガスを含むECRプラズマによりHfO2垂直高

選択加工について、IMECのDemand氏は、Ybドープ

のpoly-Si加工において加工の中途にYb生成物の

ウエット除去を入れた加工について、Seleteの小

野氏は、ゲート電極材料の加工においてTaSiN膜と

TiN膜を同時に垂直加工するプロセス技術につい

て報告した。 

プラズマダメージのセッションでは、Sony の落

居氏は、poly-Si 膜加工時に生じる Si 基板ダメー

ジ（リセス）について、分子動力学計算と計測か

ら、そのメカニズムが Hの打込み深さと酸素の拡

散であることを報告した。京大の中窪氏は、Si 基

板へのダメージがセルフバイアスの電位に依存す

ることについて報告した。 

ポスターセッションでは、初日、２日目と２回

に分けて行われ、多数の発表者に対し、盛んに議

論された。 

懇親会は、初日の夜に会場を東京湾の屋形船に

移し開催された。天候にも恵まれ海外からの参加

者に好評であった。 

ドライプロセス国際シンポジウムは、１９７９

年の初回から数えて来年で３０回を向かえる。来

年度は、記念行事も含め１１月２６日から２８日 

に東京・品川のコクヨホールで開催する予定であ

る。今回同様、皆様の積極的な参加をお待ちして

おります。 
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国際会議報告 
第５４回国際 AVS 会議参加報告 

東北大学 寒川誠二

American Vacuum Society  54th International 

Symposium & Exhibitionは、10/14～10/19 の期間、

米国シアトルのWashington State Convention 

Center で 開 催 さ れ た 。 Plasma science and 

technology分野については、2007/10/15～10/19

の 5 日間、2 パラレル会場で議論された。プラズ

マモデリング、low-k・high-k・先端材料・ゲート

エッチング、プラズマ源、薄膜形成、ナノテクノ

ロジー及びバイオ応用、プラズマ診断、表面およ

び壁面との相互作用、などについて、招待講演 19

件、一般オーラル講演 126 件、ポスター講演 44

件の講演がなされた。また、過去２年間AVS Plasma 

Science and Technology に お け る Executive 

Committeeを東北大学・寒川が勤めていたが、2008

年から２年間は大阪大学・浜口先生にバトンタッ

チされた。浜口先生にはプラズマエレクトロニク

ス分科会とAVSの絆をさらに深めていただけるこ

とを期待する。以下に講演のトピックスを紹介す

る。 

１）Activation Energies for HfO2 and Si Etching 

in BCl3 Plasmas, and Boron Cleaning from Si in 

H2 Plasmas, C. Wang, V.M. Donnelly, University 

of Houston 

BCl3プラズマによるHfO2や Siのエッチング速

度の基板温度依存性を調べることで、活性化エネ

ルギーを求めた。温度依存性は低く、活性化エネ

ルギーは HfO2 で 0.2～0.9 kcal/mol、Si で 0.8～

1.8 kcal/mol であった。また、H2/Ar プラズマに

よる Si上の Bの除去についても調べた。活性化エ

ネルギーは 2.7 kcal/mol と高かった。一方、この

条件では Si エッチングも起こるが、その活性化エ

ネルギーは 0.2～0.6 kcal/mol と低い。従って、

高温での処理をおこなうことで、Si のエッチング

を低く抑えて B を除去できる。 

２）Measurement of Electron Shading and its 

Depletion by Ultraviolet Radiation using 

Scanning Surface Potential Microscopy1, G.S. 

Upadhyaya, J.L. Shohet, University of 

Wisconsin-Madison, J.B. Kruger, Stanford 

University 

絶縁材料のホール形状のエッチングの際に起こ

る電子シェーディング効果について、カーボンナ

ノチューブ探針を用いたケルビン力顕微鏡（KFM）

による直接観察をおこなった。プラズマ照射前後

の比較から、ホール部分でのチャージアップが確

認された。また、プラズマ照射後に紫外線を照射

することでチャージアップが消失した。 

３）Parallel Writing of Complex Nanofeatures 

using Nanopantography, L. Xu, A. Nasrullah, M. 

Jain, Z. Chen, V.M. Donnelly, D.J. Economou, 

P. Ruchhoeft, University of Houston 

ナノパントグラフィーという技術が紹介された。

導電性基板上にサブミクロンオーダーの静電レン

ズのアレーを作製し、静電レンズに電圧を印加し

た状態でイオンビームを照射することで、基板上

の、レンズ径の 1/100 程度の微小な領域へのビー

ム照射ができる。たとえば塩素ガス中でアルゴン

ビームを照射することで、シリコンに直径 10nm

の穴をあけることができる。また、基板を傾ける

ことで任意のパターンが作製できることが示され

た。 
４） “High Frequency Capacitively Coupled 
Plasma for Low Ion Energy Dual Damascene 
Etching”.  Low-k dual damascence, 
Marakhatanov (Lam) 
エッチング時におけるファセットの生成およびそ
の抑制に関する講演。下部バイアス周波数により、
IED を制御。低周波数では、分布が広がり、高エ
ネルギーイオンの照射により、ファセットが生成。
高周波数では、エネルギーが低すぎるため、異方
性エッチングが困難。60 MHz の周波数が最適。 
５ ） “Plasma Source-Dependent Charging 
Damage Polarities in the Performance 
Degradation of MOSFETs with Hf-based 
High-k Gate”. K.Eriguchi (Kyoto University), 
High-k (HfAlOx/SiO2) エッチング時のチャージ
ダメージに関する講演。High-k と SiO2 の
p-MOS におけるチャージダメージを比較した結
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果、High-k と SiO2 で、ダメージの入り方が異
なる。また、照射するプラズマ (Ar or Cl2) によ
って、MOS-FET の特性変化が大きく変化する。 
６） “Ion- and Radical-Induced Ultra Low-k 
Damage Mechanisms”. M. A. Goldman (UC 
Berkley), Low-k 膜に対する、イオンおよびラジ
カル照射によるダメージ生成に関する講演。 Ar 
や Xe などのイオン照射では、膜表面にのみダメ
ージが生成する。一方、O や N などの化学反応
を引き起こすラジカルビーム照射では、表面の C
の引き抜きにより、膜深部までダメージが侵入す
ることを紹介した。 
７）“Measurement of electron shading and its 
depletion by ultraviolet radiation using 
scanning surface potential microscopy”. J. L. 
Shohet (U of Wisconsin-Madison), KFM を用い
たプラズマ照射時のウエハ表面のポテンシャル評
価に関する講演。この評価手法により、プラズマ
によって生成するチャージダメージや紫外線によ
るチャージ生成を評価することができる。実際に、
プラズマおよび紫外線を照射した結果、どちらに
おいてもウエハ表面でポテンシャル変化が見られ
た。. 
８） “Plasma-wall interactions in inductively 
coupled plasma reactor and a novel method for 
wall condition control”, H. Singh (Lam):. プラ
ズマエッチングにおける壁の影響に関する講演。
微細化が進むにつれ、エッチング時の壁の影響と
いうものは、年々増加している。そのために、常
に壁の状態を一定に保つ必要があり、その手法と
して、AC3 という手法を提案。ここでは、ウエ
ハ処理前にチャンバー壁表面に薄膜を堆積し、ウ
エハ処理中の壁の状態を一定に保つといった手法
を提案している。また、45 nm, 32 nm 世代を迎
えるにあたり、多種多様の材料がチャンバー内で
処理されるようになり、その際にも常に壁の状態
を保つ技術が必要である。 
９）“In-situ wafer-based plasma sensor analysis 
in inductively coupled plasmas”, M. J. Titus 
(UC Berkley): プラズマ照射中にオンウエハで温
度計測および電圧計測を試み、その結果をシミュ
レーションにより考察。ウエハ表面での温度上昇
は、イオン衝撃および、表面でのイオン-電子再結
合に起因することを明らかにしていた。 
１０）Vacuum-Ultraviolet Radiation-Induced 
Charge Depletion in Plasma-Charged SiO2/Si 
by Electron Photoinjection and 
Fowler-Nordheim Tunneling1, G.S. Upadhyaya, 
J.L. Shohet, University of Wisconsin-Madison 
 プラズマ中の紫外光によって絶縁膜に導電性が

生じることで、チャージアップダメージが抑制さ

れる効果がある。プラズマによってチャージング

した SiO2/Si にシンクロトロンからの単色紫外光

（8～18eV）を当てることで、チャージングの消

失を調べた。紫外光のエネルギーが 13eV 以下の

場合のみ、チャージングの消失が見られた。 
１１） Role of UV/VUV Radiation and Ion 
Bombardment in the Degradation and 
Roughening of Photoresist Polymers, D.G. Nest, 
D.B. G aves, University of California, Berkeley, 
S. Engelmann, R.L. Bruce, T. Kw n, R. Ph n uf, 
G.S. Oeh lein, University of Maryland, College 
Park, C. Andes, Rohm and Haas Electronic 
Materials, E.A. Hudson, Lam Research Corp. 

r
o a e

r

 プラズマ中のイオンおよび紫外光によるレジス

トの劣化をターゲットとして、真空中でイオンお

よび紫外光を独立に照射する実験を行った。イオ

ンの効果はごく表面に限られていて、架橋が進ん

だ表面層が形成された。一方、紫外光の効果はよ

り深くまで及び、レジストの化学組成に依存した。 
 
 (全体の印象) 
プラズマから照射される UV や VUV 光の影響に
関する講演やオンウエハーセンサーが今回多数で
てきたことが特徴であった。特にポリマーやレジ
ストに対する照射ダメージが活発に議論されたこ
とが今回の大きな特徴である。また、東京エレク
トロンと AMT からの２つの招待講演で中性粒子
ビームの必要性やオンウエハーモニタリングの必
要性などが紹介され、日本から発信された技術提
案が浸透してきていることが分かった。 
日本と違い、本当に良いものを迅速に取り入れ

てものにしようとする米国の活発なスタイルが垣
間見られた。また、米国では Lam、AMT に代表され
る装置メーカーの講演が主体であるが、ヨーロッ
パはフランスの Leti、ベルギーの IMEC などのコ
ンソーシアムが中心であった。一方、相対的に日
本の活動は停滞気味で、企業も大学でも新しい提
案が少なく、昔ながらの議論を展開しているもの
が多いことが気になった。 
AVS はプラズマ分野では流れを決めるもっとも

重要な学会である。AVS への分科会をあげた積極
的な参加と連携を是非お願いしたいと思う。 
 

以上 
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国内会議報告 

第 20 回プラズマ材料科学シンポジウム（SPSM-20）報告 
― 第二十周年記念シンポジウム ― 

(The 20th Symposium on Plasma Science for Materials (SPSM20)) 

名古屋大学 堀 勝 
 

第 20 回プラズマ材料科学シンポジウム

（SPSM-20）が、2007 年（平成 19 年）6月 21 日（木）

- 6 月 22 日（金）の 2日間に渡り、名古屋大学 野

依記念学術交流会館にて、主催：日本学術振興会

153 委員会主催、協賛：応用物理学会プラズマエ

レトロニクス分科会の下に開催された。 

 
【シンポジウムの主旨と概要】 

 本シンポジウムは、1987 年のプラズマ化学国際

会議シンポジウム（ISPC-8）の日本開催を機に、

国内の学会横断的なシンポジウムをめざして「プ

ラズマ化学合同シンポジウム（JSPC)）として発足

し（1988）、1993 年より「プラズマ材料科学シン

ポジウム(SPSM)」と名を改めて、材料科学への応

用を機軸にしたプラズマ応用とその基礎に関する

討論の場を提供し、この分野の発展を推進してき

た日本の誇る代表的なプラズマ材料に関する会議

である。境界分野であるプラズマ科学は、その境

界を広げることにより活力が高められ、第 20回を

迎えることになった。第 20 周年を記念し、本分野

をリードする質の高い発表が国内外からなされた。

特に、世代を超えてプラズマ材料研究者・技術者

が参集し、議論できたことは本シンポジウムの特

筆すべき点であった。参加人数は、256 名を数え、

国内で開催された同シンポジウムの中では、過去

最高数となった。講演数は、138 件（招待講演 19

件、ポスター89 件）であった。同シンポジウムの

プロシーディングスは、発表者からの投稿論文の

中から採択された 31 件が Thin Solid Films 特集

号として発刊される。 

 
【シンポジウムのトピックス】 

 シンポジウムの冒頭、吉田豊信教授（東大）か

ら SPSM-20 記念講演として、「プラズマ材料科学

の 20 年と未来」と題した基調講演があった。同シ

ンポジウムの第一回に講演された、Dr. H.F. 

Winters による「低温プラズマ」と Prof. E. 

Pfender による「熱プラズマ」に関する基調講演

のテープが流れた。プロセスプラズマの草分け的

な存在である両研究者の張りのある声とともに、

今後のプラズマプロセスの発展を願う、熱意のこ

もった講演に一堂感動した。その後、20 年間のプ

ラズマプロセスを振り返るとともに、現在のプラ

ズマの位置づけを定義し、未来への展望をなされ

た素晴らしい講演であった。吉田先生のお話は、

本シンポジウムに留まらず、今後機会を作って是

非とも多くの学会等で講演していただき、多くの

人々に知っていただくことが必要と思う。 

 特別講演として、橘邦英教授（京大）による「最

先端プラズマ化学とその動向」および J.G Han 教

授(Korea)による「スパッタリングプロセスにおけ

る診断技術による薄膜構造の設計と制御」に関す

る講演がなされた。橘先生は、8月に行われた ISPC

におけるトピックスをまとめ、将来への展望を述

べられた。今後のプラズマプロセスの将来を知る

上で貴重な講演であった。Han 先生は、韓国を代

表するプラズマ研究者であり、韓国のビッグプロ

ジェクトを推進するリーダーである。先端スパッ

タリング技術をレヴューし、計測技術の重要性を

力説された講演は、圧巻であった。153 委員会が

設定している学術賞受賞記念講演として、河野明

廣教授（名大）が、「分光診断による低温プラズマ

における荷電粒子」と題し、これまで同先生がな

された素晴らしいご成果が紹介された。基礎研究

を軸に、現象をしっかりと解明していく骨太な研

究の重要性を改めて認識させるものであった。 

 

【招待講演】 

下記に国内外から招待した本分野を代表する研究

者の方々の講演題目を列挙する。Prof. Touchard

の「プラズマアクチュエーター」はプラズマ分野に

新しい息吹を吹き込む可能性があり、注目を集めた。

 25



その他非常に興味深くかつホットなテーマに関す

る招待講演がなされた。 

「プラズマアクチュエーター」G. Touchard 

(France) 

「プラズマによる自己組織化一次元ナノ材料の形

成」K. Ostricov(Australia) 

「カーボンナノ材料プラズマプロセッシング」O. 

Stepanovic(Germany) 

「ナノバイオデバイス応用のためのDNAメタライゼ

ーション」B. Y. Hong（Korea） 

「マイクロ波プラズマを用いるバイオプロセシン

グ」」永津雅章（静岡大） 

「サブμ秒パルス・ソルーションプラズマからの

ナノトポロジカル微粒子合成」 

高井治（名大） 

「大気圧プラズマの大面積化と表面改質技術」柴

田哲司（松下電工） 

「プラズマによる排気ガス処理とその反応機構」栃

久保文嘉（首都大学東京） 

「低非熱平衡プラズマによる濃度揮発性有機物の

除去」小田哲治（東大） 

「長波長マイクロ波を用いた長尺プラズマの生

成」深沢孝之（株式会社アドテックプラズマテク

ノロジー） 

「マイクロ波プラズマCVDによる13族窒化物ナノ

粒子の合成」島田学（広大） 

「変調熱プラズマの基礎特性とその熱的反応論的

非平衡モデリング」田中康規（金沢大） 

「プラズマプロセスを用いたバイオテクノロジー

への応用」吉田泰彦（東洋大） 

「細管内壁コーティングプロセス」藤山寛（長崎

大） 

 

【所感】 

新しいプラズマ技術として注目されている、大

気圧プラズマ、液中プラズマ、プラズマナノテク

ノロジー、プラズマバイオテクノロジーをはじめ、

独創性に溢れる高いレベルの研究の講演が多数行

われた。最終日まで席が満席となり、多くの参加

者が最後まで議論を続け、あっと言う間に 2日間

が過ぎ去った。今後のプラズマプロセスには、サ

イエンスに基づいたアプローチと材料科学との一

層の融合が重要になってきている。プラズマエレ

クトロニクス、プラズマ材料科学を構築してこら

れた緒先輩と今後同分野を担い、新たな領域を開

拓していく若手とが一同に集まって議論できたこ

とは非常に有意義であった。温故知新、未知への

挑戦と開拓を基に、研究に情熱を傾ける老若男女

が世代を超えて国際的に議論できる場がもっと多

く必要かもしれない。 

写真：日本、韓国、ドイツ、オーストラリア、フランスから 256 名が一同に会して、プラズマ材料科

学について議論を行った。定年した 80 歳の名誉教授から質問を受け、講演者が答えるというキャッチ

ボールが行われた会場の様子。 
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国内会議報告 
フロンティアプロセス研究会２００７開催報告 

東北大学 寒川誠二

毎年夏に開催されるフロンティアプロセス研

究会が本年も 2007/8/17～8/18 の２日間、産業

技術総合研究所にて開催された。参加者８０名

を超え 7 名の講師により、Beyond CMOS, 
More Than Moore を目指している各種の新原

理デバイスに関する活発な議論がなされた。研

究会は大変盛況であり、参加者からも大変好評

であった。また、懇親会も例年通り盛り上がり、

新たな連携も生まれたようである。以下に講演

内容に関してまとめた。 
 
１）MOS トランジスタ３次元化の新たな展開

（東北大・遠藤哲郎） 
MOSFET のさらなる微細化のための技術と

して、チャネルを円柱状に作り、その周囲をゲ

ートが囲む縦型MOSFETの試みが紹介された。

FinFET よりもさらに短チャネル効果が抑制

され、チップ上での占有面積も小さくなること

が紹介された。 
２）共鳴トンネルデバイスの今後の展開（東

京農工大・須田良幸）  
多重量子井戸構造によって作製する共鳴トン

ネルデバイス（メモリ、ダイオード、トランジ

スタ、論理素子）について紹介された。また、

それを実現させるための薄膜の歪み制御につ

いて議論された。 
３）CNT デバイスの新たな展開（NEC・二

瓶史行） 
カーボンナノチューブトランジスタについて、

その伝導性の実験およびシミュレーション、プ

ラスチック基板を用いたフレキシブルなデバ

イス、高周波デバイスについて紹介された。 
４）ナノエレクトロメカニカル構造を有する

シリコンナノ機能デバイス（サザンプトン大学

/東工大・水田博）  
シリコンナノドットと機械的構造とを組み合

わせた新たなデバイスについて紹介された。メ

モリや単電子トランジスタへの応用が紹介さ

れた。 
５）新たな配線技術＝光配線技術＝（Selete・
大橋啓之）  
シリコン導波路を使うことで従来の光ファイ

バを置き換え、ネットワーク機器の小型化が可

能である。また、チップ間やチップ内の通信に

光を用いることも可能である。表面プラズモン

を応用したフォトダイオードや、PZT を用いた

電気光変調素子が紹介された。 
６）シリコン・チップへの光源搭載 – シリコ

ン光エミッタの現状 – （東京大・深津晋）  
シリコンを用いた発光素子の可能性について

述べられた。シリコン中に III-V 族半導体のド

ットを埋め込む構造の素子の紹介がなされた。 
７）量子コンピュータの現状と今後の展開（筑

波大・磯谷順一）  
量子コンピュータの現状について紹介された。

集積化のために必須となる固体素子を用いた

量子コンピュータは、２キュービットの実現・

検証の段階にある。シリコン中の 31P ドナー

の核スピンをキュービットとして用いる方法、

電子スピンやダイヤモンド中の欠陥を用いる

方法が紹介された。 
 
 現在、ポストスケーリングデバイスとして

Beyond CMOS, More Than Mooreという言葉が

氾濫しており、デバイスを開発している人達まで

その流れを整理できていないのが現状である。本

研究会では、これらのデバイスおよびそのデバイ

スに必要となるプロセスに関して整理し、今後の

動向に関して議論することを目的に企画したが、

タイミングの良い企画であったため、議論が大変

活発となった。多様なデバイスが開発されつつあ

る今日、デバイスオリエンテッドなプロセス研究

の必要性を改めて感じた。現在まで培われてきた

基盤技術・プラズマプロセスは、今こそデバイス
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の世界に飛び込んでその有効性を実証するとき

に来ている。フロンティアプロセス研究会の意義

は益々大きなものになってきている。 
 
 最後に、今回も現地実行委員をお引き受けいた

だきました産業技術総合研究所・ナノテクノロジ

ー研究部門・山崎聡氏、プログラムに関して議論

いただいた、大阪大学・浜口智志氏、広島大学・

宮崎誠一氏、九州大学・白谷正治氏に心より感謝

いたします。 
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国内会議報告 
 

平成１９年秋季 第６８回応用物理学会学術講演会 シンポジウム 

「プラズマとその応用プロセスのシミュレーション 

－現状とさらなる飛躍に向けて－」 報告 

中部大学工学部 中 村 圭 二 
防衛大学校  明 石 治 朗 

 
 
 

近年の電子デバイスの進展に伴い、プラズマを

用いたプロセスはより高度かつ複雑となり、今後

もますますその傾向は強くなるものと予想される。

そのような状況に対応する上で、プラズマおよび

プラズマプロセスのシミュレータは、最適なプロ

セスを設計する際の省力化ツールとして期待が大

きいものの、必ずしも生産現場で有効に利用され

ていないのが現状である。本シンポジウムでは、

実験結果との比較なども含めながらプラズマとそ

の応用プロセスのシミュレータの現状と課題を整

理するとともに、その課題を克服するための試み

を紹介し、シミュレータのさらなる飛躍に資する

討論が１２０名程度の参加者を得て行われた。 
シンポジウムにおいては、本シンポジウムの企

画趣旨について、防衛大・明石よりイントロダク

トリートークを行った後、京都大学・斧高一先生

より、プラズマおよびその応用プロセスのシミュ

レーションの現状が紹介された。現在はプラズマ

特性の実験的診断や数値的評価を介して、装置パ

ラメータとプラズマ特性、プラズマ特性とプロセ

ス特性の相関について個別のシミュレーションと

して使われているものの、統合的なシミュレータ

の開発には、プラズマの状態やプラズマ・表面相

互作用の高度な理解とモデル化などが必要である

ことが述べられた。 
次に現在様々な事象に対するプラズマ関連のシ

ミュレーションについての講演が行われた。まず

気相プラズマのシミュレータに関連して、コニカ

ミノルタ TC・末富英一氏からは「大気圧グロー

放電プラズマのシミュレーション」が紹介された。

反応性ガスとしての酸素の効果を考慮した大気圧

グロープラズマのモデリングを行い、その妥当性

が検証された。また東京エレクトロン・Peter. L. G 
Ventzek 氏からは「Modeling and simulation of 
plasma sources for semiconductor device 
manufacturing: applications and opportunities」が紹介

され、半導体製造過程おけるエッチングのシミュ

レーションの発表があった。この種のシミュレー

ションは比較的 2 次元で行われることが多いが、

マスク自身のエッチング、マスク下のサイドエッ

チなどを考慮することにより以前よりも精密にエ

ッチング加工後をシミュレートできることなどが

示された。一方、日立中研・森政士氏からは、「エ

ッチング表面のシミュレータとして、プラズマエ

ッチング形状進展シミュレーションの現状と展

望：Si エッチング」が紹介され、側壁保護膜の形

成メカニズムやエッチングの形状制御のモデル化

などが、実験結果との比較により検討されるとと

もに、その高精度化に向けた取組みが示された。 
市販ベースのシミュレータの現状として、ペガ

サスソフトウェア・田中正明氏から、「プロセスプ

ラズマシミュレータ」と題して、気体やプラズマ

挙動解析を目的とした装置シミュレータ

「PEGASUS」の紹介が、スパッタ装置やＣＶＤ装

置での適用例とともに行われた。 
さらに各種シミュレーションの新しい試みとし
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て、ナノチューブ創製用CH4/H2混合RFプラズマ

のシミュレーションが名古屋工業大学・小田昭紀

先生より紹介され、カーボンナノチューブの成長

条件と比較することで非ラジカル種がナノチュー

ブの成長に寄与していることが示された。また大

阪大学・浜口智志先生からは、分子運動論に基づ

くエッチング／デポジション表面のシミュレーシ

ョンが古典的分子動力学での結果を中心に紹介さ

れ、数値シミュレーションとビーム実験を用いた

表面における非平衡化学反応の解析手法が示され

た。 
最後に総括として、慶応大・真壁利明先生から

「全体のまとめ：プラズマプロセスデザイン、現

状と展望」が述べられ、イオンやラジカルによる

表面相互作用を介したミクロなイールドの解明な

どを進め、データベースクライシスに対応してい

くことの重要性などについて議論された。 
このように、シミュレータを実際のプロセス設

計に利用していくには、まだ多くの課題が残され

ているものの、プロセスの構築についての時間短

縮や低コスト化の観点から、今後もさらなる改良

が施され、本シンポジウムがその起点となるもの

と期待される。 
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国内会議報告 
2007 年秋季第 68 回応用物理学会学術講演会合同セッション D 報告 

名古屋大学 豊 田 浩 孝 
 

 
合同セッション D は講演会最終日に開催され、

１４件の一般講演が行われた。今回もシリコン、

カーボン系材料などを対象として、様々なプラズ

マを用いた薄膜形成やエッチング、診断等に関す

る報告が行われ、活発な議論がなされた。 
シリコン系プラズマCVDに関係する講演とし

て、まず九州大学のグループからマルチホロー電

極に磁場を印加する製膜手法によるアモルファス

Siの光劣化抑止の取り組みが提案され、磁場を用

いない従来法に比べて製膜速度の改善と膜中クラ

スター量の低減効果が示された。また、微結晶Si
の製膜プロセスでは、マイクロ波を用いた高密度

プラズマに関する報告が多く見られた。埼玉大学

のグループはSiH4系とSiH2Cl2系プラズマCVDの

比較実験をおこない、欠陥密度の成長温度依存性

が原料ガスによって大きく異なることが示された。

また、名古屋大学のグループは太陽電池応用に向

けた大面積微結晶Si薄膜形成の検討が行われ、表

面波プラズマを用い 2×0.4 メートルの長尺プラ

ズマの生成と微結晶Siの高速製膜（2.5nm/s）の

結果が報告された。今後、さらなる大面積化が検

討されており、産業界へのインパクトが期待され

る。また、産総研のグループは、ファイバー基板

に微結晶Siを形成するユニークな研究が進められ

ており、700nm/s以上の高速製膜という従来に比

べて２～３桁高い高速製膜が実現された。その他、

Siの製膜に関しては、UHFパルス変調プラズマに

よるナノSiの気相合成（名大）や、大気圧水素プ

ラズマを用いた化学輸送を原理とするSiの選択エ

ピタキシャル成長技術（阪大）が報告された。一

方、Si系CVDにおいては壁の制御が膜質にも大き

な影響を与えることから、CVD装置のクリーニン

グが欠かせない。東北大のグループからは従来の

NF3に替わり、窒素を含まず高速エッチングが期

待されるF2ガスを利用したSiの高速エッチング技

術について興味深い報告がなされた。 

アモルファスカーボン系材料では、多重内部反

射赤外吸収分光法を用いることにより、水素プラ

ズマ処理による水素終端変化のその場観察をおこ

なった結果が長崎大学のグループから報告された。

また、表面波プラズマを用いたカーボン薄膜の形

成および薄膜堆積の分子軌道シミュレーションに

ついて、それぞれ東京大学および名古屋大学のグ

ループからの報告があった。また、九州大学のグ

ループからは、新しい機能性材料として注目され

るナノダイアモンドについて、マイクロ波プラズ

マCVDによるアモルファス／ダイアモンド体積

比率制御に関する報告があった。報告ではCHラ

ジカルに比べてC2ラジカルがダイアモンド成長

に有効であることが示されるとともに、プリカー

サであるC2ラジカルの生成が原料ガスによって

大きく異なることが示された。さらに、同研究グ

ループからはダイアモンドに類似した機能性材料

としてcBNのプラズマ合成に関する報告もなされ

るなど、精力的な研究成果の報告がなされている。

一方、LSI用Low-k材料の開発研究について、京

都大学のグループより優れた機械的強度を得るこ

とを目的に、構造的が従来材料よりも強固なアダ

マンタンをプリカーサとして用いたカーボン薄膜

の形成が報告された。Brを付与したアダマンタン

の使用により機械的強度が改善されたが、分極性

の強いBrの含有により薄膜の誘電率が高いこと

が今後の課題である。その他、名古屋大学のグル

ープからは、カーボンナノチューブ電子デバイス

保護膜として有用なSiNxについて、ナノチューブ

へのダメージを抑制したリモートプラズマ形成に

ついて報告がなされた。 
本合同セッションはプラズマ CVD の基礎と応

用をつなぐ場として開催されている。本セッショ

ンを通じた議論により、今後も引き続き新しいプ

ラズマ CVD 研究の展開が期待される。 
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国内会議報告 

第 68 回応用物理学会学術講演会 合同セッション F 
「カーボンナノチューブの基礎と応用」学会報告 

武蔵工業大学 工学部 平田 孝道

去る平成 19 年 9 月 4 日～8 日に、北海道工業

大学（北海道札幌市手稲区前田７条 15 目 4-1）で

開催された第 68 回応用物理学会学術講演会にお

いて、合同セッション F「カーボンナノチューブ

の基礎と応用」が開催された。カーボンナノチュ

ーブの発見以来、その特異性かつ新規性に注目し

た研究発表が急増し、現在でもその諸特性の解明

及び応用に関する研究が盛んに行なわれている。 
今回の発表件数は、115 件（講演取り消しも含

む）であり、傍聴者も連日 100 名前後であった。

内容の分類は以下の通りである。• 合成・成長・

配向 36 件（合成には、プラズマ CVD 法、熱 CVD
法、レーザーアブレーション法、アーク放電法等、

並びに形成機構解明を含む。）、• ナノカーボン類

（ナノコイル・ナノウオール・アークスート）：

14 件、• 複合構造：1 件、• 内包ナノチューブ：

2 件、• 分離・分散・修飾：3 件、• 機械的・光

学的・磁性的物性評価：8 件、• 電界放出特性：

10 件、• SEM/TEM 観察：12 件、• CNT-FET：9
件、• バイオデバイス（センサ）：11 件、• その

他：9 件。 
まず非チューブ状ナノカーボン材料の分野では、

超臨界 CO2 と Pt 有機化合物を用いたナノウォー

ルへの触媒用 Pt 微粒子の高密度担持を実現した

発表（名大、名城大）が目を引いた。ナノコイル

では、電波吸収体を目指した樹脂複合材料の複素

誘電率の測定（阪府大）がパーコレーションを非

破壊に評価する手法としても興味深かった。 
センサ応用では、JJAP 論文奨励賞受賞記念講

演のカーボンナノチューブ（CNT）薄膜を用いた

高感度ガスセンサ（阪大）の発表のほか、Pt 修飾

CNT を用いた CO 検出の高感度化（阪大）や、

CNT 電極微小流体チップによるブドウ糖検出の

試み（阪大、北陸先端大）が注目を集めた。エミ

ッタでは、ナノファイバ／エラストマー複合シー

トを用いた柔軟性をもつ側面電子放出素子（奈良

先端大、神戸大、日信工業）が興味を引いた。 
CNT の LSI 配線へ向けた報告は、400℃での

CNT 成長、CMP の適用など、LSI プロセスとの

整合性を意識した内容であった（MIRAI－
Selete）。また、多層 CNT によるナノギャップの

抵抗スイッチ効果に関する報告（産総研、日大）

があり、機構解明や今後の応用が期待される。

CNT－FET に関しては、インクジェット法によ

る CNT 薄膜のパターニング、FET 形成（ブラザ

ー、阪大、東北大）が目を引いた。特性に関して

はまだ改善が必要と思われるが、今後に期待した

い。 
単層 CNT 成長に関しては、成長時その場ラマ

ン分析や SEM 観察、またエタノール分解のリア

ルタイム分析など、成長メカニズム解明につなが

る興味深い報告が多数あった。また、炭素同位体

を用いる事でサファイヤ上の配向成長は根元成長

の可能性が高いことが明らかにされた（九大）。 
電気伝導特性に関しては、ケルビン力顕微鏡、

静電気力顕微鏡、走査型ポテンショメトリー等に

より、CNT の伝導状態と欠陥の関係について検討

が加えられた（京大、名大）。さらに人為的に欠陥

を導入することで、欠陥生成メカニズムや欠陥導

入による伝導制御等が検討され（筑波大、東北大、

NTT 物性研）、欠陥の伝導へ与える影響が明らか

になりつつある。CNT 成長では、環境 TEM その

場観察（東理大）からその成長初期過程が明らか

にされた。また、mm オーダーの長尺成長とその

コーティング（静大）も今後の CNT の応用を考

える上で重要な技術であると思われる。 
CNT の光学特性評価では、架橋 CNT を用いた

フォトルミネッセンスの遷移エネルギーのエタノ

ール分子吸着量依存性（東理大）や、大気中、溶

液中での時間分解測定（名大）などが報告され、
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環境の効果が明らかにされつつある。さらに、孤

立垂直配向 CNT を用いた解析も試みられ（東北

大）、バンドルの影響についても議論された。また、

カイラリティの解析では、光誘起電流測定（名大）、

近接場分光法による共鳴ラマン散乱測定（阪大）

の有用性が示され、CNT の電子デバイス応用に向

け着実な進歩が見られた。機械的特性評価では、

片持ち梁 CNT の共振周波数を光学的に解析し、

10－21 グラムオーダーの超高感度な質量分析計

測の可能性が示され（阪府大）、今後の展開が期待

される。本報告を行なうにあたり、秋田成司（大

阪府立大）、佐藤信太郎（富士通）、種村眞幸（名

工大）、大野雄高（名大）の各氏のご協力を得たの

で、ここに深謝いたします。 
最後に、この分野に携わる様々な研究者が切磋

琢磨しながら活発な研究活動を持続し、カーボン

ナノチューブを含むナノカーボン分野が更なる発

展を遂げることを願っています。 
以上。 
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国内会議報告 
「第1回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール」報告 

九州大学 古閑一憲 
 

平成19年9月12日から14日まで滋賀県高島市マ

キノパークホテル＆セミナーハウスにて、本分科

会主催の第１回プラズマエレクトロニクスインキュ

ベーションホールが開催されました。本企画は、

プラズマプロセス研究を始めたばかりの初学者を

対象として、一流の講師陣を招きプラズマプロセ

スへの理解を深めてもらうための４つの専門講座

と、大学・企業の一流研究指導者を招き当該分野

の最新動向や指導者に必要とされる資質につい

て学ぶ機会を提供する２つの特別講座を行いまし

た。また、参加者によるポスターセッションや懇親

会をおこない、講師陣や参加者相互の意見交換

を通して、プラズマエレクトロニクスに関する知識

をさらに深めていただきました。本稿では、今回の

インキュベーションホールの概要、会計について

ご報告いたします。 

１．概要 

【主催】プラズマエレクトロニクス分科会 

【日時】2007年9月12日(水)～14日(金) 

【場所】マキノパークホテル＆セミナーハウス 

    （滋賀県高島市） 

【専門講座】（各100分） 

｢プラズマ生成の基礎｣  

高木 浩一先生（岩手大学） 

｢プラズマ計測の基礎｣ 

堀 勝先生（名古屋大学） 

｢プラズマエッチングの基礎｣ 

関根 誠先生（名古屋大学） 

｢プラズマCVDの基礎｣ 

白谷 正治先生（九州大学） 

【特別講座】（各60分） 

「プラズマエレクトロニクス分野の発展の歴史と今

後の展望－若手研究者への期待－」  

後藤 俊夫先生（中部大学） 

「プラズマエレクトロニクス最前線」 

鄭 基市先生（東京エレクトロンAT） 

 

また、優秀な質問とポスター発表に対して、幹事、

講師、参加者全員による投票をおこない、以下の

方が優秀賞を受賞されました。 

 井関 紗千子さん（和歌山大）：ポスター、質問 

 今西 康雄さん（東京大）：ポスター 

 岩下 伸也さん（九州大）：ポスター、質問 

 長尾 勝久さん（大阪大）：質問 

 英 洋平さん（東北大）：ポスター 

 松浦 一暁さん（ユーディナデバイス）：質問 

 八田谷 洋一さん（宮城沖電気）：質問 

 渡邉 大輔さん（青山学院大）：ポスター 

２．会計報告 

収入の部 

参加費 1,353,000 

分科会からの支出金 200,000 

活性化支援金 200,000 

収入合計 1,753,000 

支出の部 

参加者宿泊費・交通費 1,051,095 

テキスト印刷代 111,720 

エクスカージョン費用 66,150 

懇親会費 110,871 

講演料 247,511 

損害傷害保険代 20,100 

ポスター印刷・コピー代 9,453 

通信費 12,470 

雑費 82,293 

消耗品費 43,989 

支出合計 1,755,652 

３．本企画への意見 

 本企画のアンケートに対して、参加者からはお

おむね好評の回答をいただくことができました。し

かし、食事の改善とスケジュールの改善を願う意

見もいただいており、今後のプログラム編成に検

討が必要と考えております。 

４．終わりに 

 本年度から、従来のサマースクールに代わり新

たな企画を立ち上げることになりました。プラズマ

エレクトロニクス分野を牽引する研究者が参加者

から輩出されればと願うばかりです。最後に、本企

画の開催にあたり、御協力をいただきました講師

の先生方、参加者を派遣いただきました各研究

機関、企業の皆様に深く御礼申し上げます。 

 

第1回プラズマエレクトロニクスインキュベーションホール 

塾長 節原 裕一 （大阪大学） 

幹事 米倉 和賢 （ルネサステクノロジ） 

    秋元 健司 （NEC） 

    布村 正太 （産業総合研究所） 

    上坂 裕之 （名古屋大学） 

    古閑 一憲 （九州大学） 
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国内会議報告 
 

「第二回 光・プラズマプロセスのバイオ応用ワークショップ 
（BAPP-2)」 報告 

大阪大学工学研究科 原子分子イオン制御理工学センター 浜口智志 
 
 
 

「第二回 光・プラズマプロセスのバイオ応用ワークシ

ョップ（The 2nd Workshop on Biological Applications 
of Plasma/Photon Processing：BAPP2）」が、２００７年９

月２８日（金） 午後、大阪大学吹田キャンパス・レー

ザーエネルギー学研究センター研究棟 4 階大ホール

で開催されました。主催は、大阪大学工学研究科原

子分子イオン制御理工学センター（CAMT)、共催は、

筑波大学学際物質科学研究センター(TIMS) およ

び東京理科大学総合研究機構ポリスケールテクノロ

ジー研究センター (PTRC)、また、会議の財政的支

援は、後援の「アトミックテクノロジー創出事業」（文部

科学省）および大阪大学レーザーエネルギー学研究

センターから得ています。講演者をふくめて３０名の

出席者がありました。 
 この研究会は、光やプラズマを用いたプロセスを生

物学や医学分野へ応用する研究を行っている人たち

や、そのような分野の研究に興味を持つ人たちの交

流を深める場として、昨年度末に開催された第一回

会議に続いて開催されました。生物・医学分野の研

究者は、たとえ光や電磁波、プラズマなどをプロセス

の手段として使っていても、本プラズマエレクトロニク

ス分科会関連の研究会で発表することはあまりないよ

うです。そこで、本研究会では、様々な学会でご活躍

中の先生方に招待講演をお願いし、今回は、発表順

に、Eva Stoffels-Adamowicz (Eindhoven University 
of Technology, オランダ)、一木隆範（東大）、林 信

哉（佐賀大）、井川 聡（大阪産技研）、星野忠次（千

葉大）、吉川裕之（阪大）、北原英明（阪大）、および、

曽我公平（東京理科大）の 8 名の先生方からご講演

を 頂 き ま し た 。 講 演 と 質 疑 応 答 は 、

Stoffels-Adamowicz 氏の講演以外、すべて日本語で

す。対象が学際分野ということもあり、主催者側として

は、出席者が、分からないことはどんなに基礎的なこ

とでも質問・議論できる環境づくりに努めました。（ち

なみに、Stoffels-Adamowicz 氏は、日本語が流暢で、

他の講演者への質問は日本語でされていました。） 

各講演とも、大変興味深い内容でしたが、紙面の都

合で、ここにご紹介できませんので、講演要旨は、本

研究会のＨＰ 

http://www.camt.eng.osaka-u.ac.jp/bapp/ 

で 是非 ご 覧く ださ い 。引 き 続 き 、第 三 回の 会議

(BAPP-3)を来年度に開催する予定です。ご興味のあ

る方は、是非ご参加ください。 

 

 

 
会議の風景 
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国内会議報告 

第 18 回プラズマエレクトロニクス講習会 
（於 東京工業大学大岡山キャンパス百年記念館） 

武蔵工業大学 平田 孝道 
第 18 回プラズマエレクトロニクス講習会が平成 19 年
11 月 1 日（木），2 日（金）の２日間，東京工業大学大
岡山キャンパス百年記念館で開催されました。今回
は，「プラズマプロセスの最前線と展望」‐プラズマ解
析技術～2035 年のプラズマ技術まで‐と題して，各分
野の最前線でご活躍の著名な講師10名をお招きし，
最先端の量産現場で必要とされる管理・モニタリング
技術についての概論とその基礎となる測定手法，プ
ラズマプロセスモデリングと将来技術の最前線，プラ
ズマ技術の最新応用に亘る広範囲な講義を企画しま
した。また，11月1日（初日）は，微細化の極限を迎え
つつある現在から今後 30 年を見据えたプラズマ技術
に関する特別講演を企画しました。昨今の学会，国
際会議，研究会の多数開催にも関わらず，総勢51名
の皆様に会場まで足を運んで頂き，盛況のうちに講
習会を終えることができました。講師の先生方をはじ
め，参加者の皆様にはこの場を借りて深く御礼申し
上げます。 

本講習会では，企業を中心に専門の業務に従事
しながらさらに専門知識を深めたい方，プラズマ技術
の最新動向に関心のある技術者，研究者，学生の皆
様を対象にプログラムを企画しています。講義以外に
もポスターセッションなどを設けることで，専門の枠に
とらわれず，親睦・情報交換の場としても機能できるよ
う創意工夫を重ねております。来年も講習会を企画し
ておりますので，分科会会員および関係各位のご参
加をお待ちしております。なお，講習会テキストのバ
ックナンバーは，応用物理学会よりお求めになること
ができます。ご希望の方は，応用物理学会のホーム
ページをご参照下さい＊。最後になりましたが，本講
習会の運営にご協力くださいましたプラズマエレクト
ロニクス分科会関係各位，ならびに応用物理学会事
務局の皆様に御礼申し上げます。 

＊http://www.jsap.or.jp/publication/text.html 

［担当幹事］大岩徳久（東芝セミコンダクター）、辰巳哲也（ソニ
ー）、根岸伸幸（日立製作所）、秋元健司（ＮＥＣエレクトロニク
ス）、長谷川明広（富士通）、奥村智洋（松下電器産業）、布村
正太（産総研） 
 

― プログラム － 
【１１月１日（木） 10：00－18：00】 
①量産応用のためのプラズマ生成とモニタリング技術 
１．量産FDC 技術とプラズマ解析技術の相互利用への提案 

美舩 章人（Spansion Japan） 
２．プラズマ生成と電子状態の In-situ 計測 

中村 圭二（中部大学） 
３．光学手法を用いたプラズマ計測 

中野 俊樹（防衛大学） 
４．In-situ パーティクル計測 

島田 学（広島大学） 
②プラズマエレクトロニクス分科会特別講演 
「２０３５年のプラズマ技術」 

 関根 誠（名古屋大学） 
③ショートプレゼンテーション 
【１１月２日（金） 10：00－16：45】 
④プラズマプロセスモデリングと将来技術の最前線 
１．シリコンエッチングシミュレーションの現状と今後の展開 

江利口 浩二（京都大学） 
２．絶縁膜加工モデリング 

八木澤 卓（慶應義塾大学） 
３．実用シミュレーション技術 

田中 正明（ペガサスソフトウェア） 
⑤プラズマ技術の最新応用 
１．MEMS 応用プラズマ技術 

森川 泰宏（ULVAC） 
２．バイオチップ開発のためのプラズマアクティベーション 

齋藤 永宏（名古屋大学） 
以上 

講習会風景 
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行事案内

 

平成２０年１月 第 25回プラズマプロセシング研究会(SPP-25) 

 

山口大学 福政 修 (現地実行委員会 委員長) 

応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会主催の第 25 回プラズマプロセシング研究会を
記の要領にて開催させていただきます．会場は、山口県庁近くのビジネス街にありますが、大
文化を伝える瑠璃光寺五重塔、山口サビエル記念聖堂、中原中也記念館等が近くにあります．
た起源は室町時代からという湯田温泉に隣接しています。都心から離れて落ち着いて議論する
は最高の立地だと存じます．皆様のご参加を心よりお待ちしております．懇親会（会場は湯田
泉にあります）への参加につきましても宜しくお願いいたします． 
 
原稿の投稿受付等は全て下記ホームページにて行っています。またプログラム等の最新情報も
時掲載予定ですので，ご覧いただけますようお願いいたします． 
ホームページ http://www.eee.yamaguchi-u.ac.jp/spp25/    

なお、プロシーディングス原稿締切りは１２月１０日(月)となっていますのでご留意ください． 

記 
 

会期】2008年(平成 20年) 1 月 23日（水）〜 1 月 25日（金） 

会場】山口県教育会館（講演会会場，受付 等） 

〒753-0072 山口市大手町2番 18号  TEL 083-922-5766 

ゆ～あいプラザ山口県社会福祉会館（ポスター会場） 

〒753-8555 山口市大手町9番 9号   TEL 083-924-1025 

（隣接する２会場での開催になります） 

交通】詳細は研究会ホームページを参照 

会議の概要】 

 プラズマプロセシング研究会は，（社）応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会主催

で，毎年1月下旬に開催され，今回で第25回目を迎えます．プロセシングプラズマの物理

的・化学的基礎科学の解明，およびその制御と応用技術の開発をテーマに掲げ，プラズマ物

理・プラズマ化学の研究者をはじめとして，原子・分子物理，薄膜・表面の物理・化学，電

子工学など多分野の研究者が一堂に会して，プラズマを接点とする境界分野の成果発表・討

論を行うと共に，新たな問題点の発掘や，新しいプロセシングの可能性を追求することが目

的です． 

ここで，プラズマ応用技術に関わる基礎的研究は勿論のこと，次世代の応用技術と目され

ているナノテクノロジー分野（ナノ粒子，ナノ構造物質，ナノ加工），バイオテクノロジー分

野，環境応用分野もスコープに加え，総合的な議論ができるように配慮されています．また、

次世代を担う大学院生等の人材育成の観点より，第一線で活躍する著名な研究者を招待して，

「特別講演」や「指定テーマ講演」を企画しています． 

1］【特別講演】 

「プラズマ研究の基礎から応用への40年～次世代に託す夢」       橘 邦英 氏（京都大学・教授） 

「カーボンナノチューブの気相合成と応用研究における最近のトピックス」 中山 喜萬 氏（大阪大学・教授） 
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［2］【指定テーマ講演】 

「非平衡プラズマ化学反応による水素生成とエネルギーシステムへの応用」   岡崎 健 氏（東京工業大学・教授） 

「ソリューションプラズマ・プロセシング」            高井 治 氏（名古屋大学・教授） 

 

［3］【一般講演】（口頭発表またはポスター発表） 
1) プロセシングプラズマの発生・制御 

2) プロセシングプラズマの診断・計測・モニタリング 

3) プロセシングプラズマにおける素過程・モデリング 

4) プラズマによるエッチング（ゲートスタック，ダマシン，MEMSなど） 

5) プラズマによる薄膜形成（絶縁体，導電体，半導体，金属，Low-k，High-k，配線材料，

透明導電膜など） 

6) プラズマによる表面改質（酸化，窒化，イオン注入，クリーニングなど） 

7) 大気圧・マイクロプラズマの基礎と応用 

8) プラズマ応用技術 

8-1) ナノテクノロジー（ナノ構造物質 [炭素系，窒化物系]，ナノ粒子など） 

8-2) バイオテクノロジー（バイオチップ，殺菌・滅菌など） 

8-3) 環境応用 

8-4) 光応用・発行デバイス用プラズマ 

8-5) フラットパネルディスプレー・ジャイアントエレクトロニクス 

9) 上記以外のプラズマプロセシング 

 

【参加費】（個人資格，プロシーディングス代を含む） 

 
プラズマエレクトロニクス分科会会員

（応用物理学会会員） 

プラズマエレクトロニクス分科会会員

（応用物理学会非会員）

応用物理学会会員・ 

協賛学協会会員 
その他 

一 般 12,000円 15,000円 15,000円 18,000円 

学 生 3,000円 5,000円 5,000円 8,000円 

ただし，事前参加申込み期限【2007年 11月 26日】以降は，一般2,000円増，学生1,000円増 

 

【懇親会】2008年 1月 23日（水）18:30～20:30 ホテルニュータナカ 平安の間 

      会費 5,000円 （講演会－懇親会 会場間には，シャトルバスが出ます） 

 

【問い合わせ先】 

第 25回プラズマプロセシング研究会（SPP-25） 

現地実行委員会 委員長 福政 修 

山口大学大学院理工学研究科（〒755-8611 山口県宇部市常盤台2-16-1） 

TEL/FAX: 0836-85-9445/0836-85-9401，E-mail: spp25@yamaguchi-u.ac.jp 

SPP-25ホームページ http://www.eee.yamaguchi-u.ac.jp/spp25/

 

【締切】 

1) 事前参加申込み      ：2007年 11月 26日（月） 

2) プロシーディングス原稿提出：2007年 12月 10日（月）[英文，A4版 2ページ] 

 

主催 応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会 

共催 山口大学教育研究後援財団，山口大学工学部，応用物理学会中国四国支部 

協賛 日本物理学会，プラズマ・核融合学会，電気学会，電子情報通信学会，日本化学会， 

電気化学会，高分子学会，日本真空協会，日本セラミックス協会，表面技術協会 

後援 財団法人 中国電力技術研究財団，財団法人 中部電力基礎技術研究所 

 

以上． 
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行事案内 
平成２０年 春季第５５回応用物理学関係連合講演会シンポジウム 

 
液相プラズマ科学の研究課題と応用への展望 

 
京都大学 江利口浩二 

 

 
現代社会において、プラズマは、学術的・産業

的側面からも重要な役割を担っていると言えます。

照明・ディスプレイに代表される機器だけでなく、

情報機器・デジタル家電を含めたさまざまな機器

に内蔵され中心的機能を果たす高性能微細デバイ

スの製造工程や、機械部品の加工においても、プ

ラズマを用いた技術が広く使われています。また

最近では、バイオ・医療・環境分野への応用も積

極的に進められています。 

“プラズマが活躍する場”としては、気相、固

相、液相及びそれらの境界があります。ディスプ

レイや微細加工の場である気相・固相境界と同様

に、液相、気相及びその境界での新材料創製など

へのプラズマ応用が、最近さらに活発になってき

ています。技術的応用は加速的に進展しています

が、そのような場におけるプラズマの生成・反応

メカニズムを鑑みたとき、それらの機構の科学的

理解は、まだまだ不十分です。 

そこで、液相を中心とする場におけるプラズマ

の応用技術についてその展望を議論するとともに、

液相でのプラズマ生成過程、気相の発生、また、

気相・液相界面の反応、生成種の振る舞いなどの

原理・研究課題についても議論する機会を企画し

ました。各分野で活躍されている先生方をお招き

し、基礎から応用までの幅広い議論が行われます。 

皆様におかれましては、奮ってご参加いただき、

液相プラズマ科学のさらなる展開を議論する有意

義な場にしていただきたく、何卒お願い申し上げ

ます。なお、本シンポジウムに先立ち、プラズマ

エレクトロニクス賞の表彰式(13:15～13:30)が行

われます。 

 

開催予定日時： 

2008 年 3 月 29 日（土）13:30～17:20 

 

プログラム： 

1.「イントロダクトリートーク」（5 分） 

京都大学 江利口浩二 

2.「液体が介在するプラズマ反応場の創成」（30 

分） 

京都大学 橘邦英 

3.「気相－液相界面プラズマの生成と応用」（30

分） 

東北大学 畠山力三 

4.「マイクロ波照射による溶液中でのプラズマ生

成法とその応用」（30 分） 

名古屋大学 石島達夫、中部大学 菅井秀郎 

 

― 休憩（15 分）― 

 

5.「新しい材料合成・加工の反応場としてのソリ

ューションプラズマ（仮）」（30 分） 

名古屋大学 高井治 

6.「超臨界流体プラズマの基礎と材料プロセス反

応場への応用」（30 分） 

東京大学 寺嶋和夫 

7.「水中放電の基礎特性と水浄化処理（仮）」（30 

分） 

熊本大学 秋山秀典 

8.「高周波およびマイクロ波を用いた液中プラズ

マの発生とその応用技術」（30 分） 

愛媛大学 野村信福、豊田洋通 
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平成 19 年度プラズマエレクトロニクス分科会活動報告 
 

プラズマエレクトロニクス分科会 臨時幹事会 

日時：2007 年 9 月 5 日（水） 18:00-19:40 

場所：北海道工業大学 G 棟 4F-G403 室 

 

 

議題１ICRP-7/GEC2010 合同開催について 

 ICRP と GEC の合同開催（案）について審議を

行った。 

 まず、畠山幹事長より、本分科会と GEC の関

係について簡単な説明が行われた。GEC には、

当分科会から１名の委員を選出することが通例

となっており、現在は、斧高一先生（京大）が

委員に選ばれている。斧先生の任期は今年まで

であり、次期委員候補として、堀勝先生（名大）

を推薦することを、４月の本分科会幹事会にて

承認した。10 月 3 日にアーリントン（米国ワシ

ントン D.C.）で行われる GEC 本会議において委

員に選出される予定である。 

 次に、堀先生より、合同開催（案）の経緯に

ついての説明が行われた。まず、ICRP の歴史に

ついて簡単な説明が行われた。次に、過去に行

った合同開催会議（1998 年の ICRP/GEC-51）に

ついて振り返り、今回、合同開催を企画する意

義（前回の合同開催から既に 10 年を経ているこ

と、若手研究者に国際会議の合同開催を経験さ

せること、分科会の活動の国際化を目指すこと、

など）について説明が行われた。合同開催（案）

は、本年 10 月の GEC で開かれる Exective 

Committee Meeting で提案することになる。開

催時期は 10-11 月を提案する予定である。開催

場所の選定が焦点となるが、第一案としては日

本、第二案はハワイ、それでも理解が得られな

いようであれば、米国本土で開催してもよいと

考えている。 

 最後に、最近の GEC の現状、GEC と ICRP の相

違点（GEC は基礎研究に重点が置かれているな

ど）などについて、斧先生より説明があった。

また、GEC の Exective Committee Meeting で開

催地決定に至るプロセスなどについて、補足説

明があった。例えば、近年、米国外（主にヨー

ロッパ）で GEC を開催しようという動きがいく

つかあったが、GEC は本来、米国の国内会議と

いう位置付けであることなどから反対意見があ

がり、米国外開催は承認されなかったというこ

とである（過去にはアイルランド、モントリオ

ールで開催された例もある）。 

  

 以上の説明に対し、出席者から意見、質問、

コメントなどがあった。一部を以下に列挙する。

なお、括弧内は、出席者からの質問に対する、

堀先生または斧先生の回答の要旨である。 

� ヨーロッパでGECを開催しようとする動き

についての質問（近年提案されたヨーロッ

パ開催は、合同開催ではなく、GEC 単独の

会議をヨーロッパで開催しようというも

のである。但し、ESCAMPIG と GEC の合同開

催を行おうという動きもあるようである） 

� GEC に過去に参加した経験から、GEC では

基礎の発表が大変充実しているとの印象

である。応用分野については、必ずしも最

先端の発表が行われているとの印象はな

い。一方、ICRP は応用よりの発表が多数あ

る。一般的に、日本国内で応用の研究を行

っている人々は、米国まで出かけて GEC に

参加する余裕が、これまではなかったよう

に思われる。今回、ICRP と GEC を共同開催

することになれば、基礎の研究者にとって

も応用の研究者にとってもよい刺激にな

ると思う。 

� AVS と比較しての参加者層の違いについて

の質問（GEC の参加者は、アトミックコリ

ジョンやプロセスのベースにあるプラズ

マについて研究している人が多く、AVS と

掛け持ちで参加している人も多いようで

ある。会議の内容は似ている面もあるが、

GEC では放電やプロセスのベーシックな部

分に焦点があり、一方、AVS はプロセスの

成果をアピールする場になっている。） 

� 一般に、企業の研究者で GEC に参加する人

は少ない。合同開催を行えば、ICRP に普段

来ている人は参加するであろうし、GEC を

日本の研究者に認知させるよい機会にも

なるだろう。 

� GEC にこれまで参加した経験からすると、

日本ではできないような基礎の研究が発

表されているとの印象である。日本ではそ
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うした発表をする機会が少ないので、合同

開催は重要かもしれない。 

� 米国開催では、日本の企業研究者の多数の

参加は見込めないのではないか。 

� 過去に参加した経験からすると、基礎や素

過程の発表もあって、面白い。基礎を確認

するよい機会となっている。 

� よい交流の機会となる。今回限定の合同開

催案から一歩進んで、継続的に GEC と合同

開催するという提案（例えば、ICRP の３回

に１回程度）をしてもよいと思う。 

� ぜひ、日本での開催を提案すべき（米国内

の研究者にとって、旅費の確保は深刻な問

題となっているので、上でも述べたように、

米国外での開催には強い反対意見がある

かもしれない） 

� 合同開催は、若手研究者にとってもよい機

会になる。 

� プログラムの編成次第で、企業の研究者の

参加も見込めるようになるのでは。 

� 米国外での開催が難しい様子であれば、初

めからハワイでの開催を提案した方がよ

いのでは（米国内の移動に要する旅費と米

国外に移動するのに必要な旅費を比較す

る（日本で開催しても、米国の研究者にと

って旅費の負担はそれほど大きくはない

ことを示す）などのプレゼンテーションが

必要かもしれない）。 

 

 結論として、本幹事会としては、ICRP/GEC の

合同開催案を承認した。会議形態としては、1998

年にハワイで行った合同開催の形態をひとつの

基準とする。また、畠山幹事長、大岩副幹事長、

節原副幹事長、斧先生、堀先生から構成された

準備委員会を設置する。この準備委員会には、

（比較的）若手の幹事代表として、企業側から

は奥村幹事（松下）、大学側からは吉村幹事（阪

大）も加わることとする。当面、堀先生および

斧先生が GEC の Ventzek 委員長らと議論・交渉

するが、その経緯および結果は、本準備委員会

のメンバーに回覧することにする。開催時期は、

10 月または 11 月を予定している。開催場所に

ついては、前記の通りであるが、交渉の感触に

応じて対応を考える。また、ESCAMPIG と合わせ

て３つの合同で開催するという案が出てくる可

能性もあるが、その場合には、その案を受け入

れることにする。 

 

議題２：プラズマ分野の学会連携活動について 

 ４月の幹事会において、物理学会領域２より

提案されていた「プラズマ分野の学会連携活動」

について、「プラズマ科学シンポジウム」の活用

を提案することになった。本臨時幹事会におい

て、物理学会領域２からの回答が報告された。

結論として、物理学会領域２は本幹事会の提案

を了承し、この案をベースとして、連携活動を

検討することになった。さらに、物理学会領域

２からは、「具体案作成に向けた共同作業部会の

設置」が提案された。しかしながら、本提案に

ついては、他の協力団体との議論や意見の摺り

合わせなども必要であることから、本分科会だ

けでは返答することはできない。そこで、当面

返答を留保することとし、物理学会領域２に対

しては、本件についての本分科会の窓口を節原

副幹事長が勤める旨、回答することになった。 

 

以上 
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第 46 回プラズマエレクトロニクス分科会ミーテ

ィング／平成 19 年度第 2 回幹事会 

日時：日時：2007 年 9 月 7 日（金）12:00～13:00 

場所：北海道工業大学 2 号館 3F 2325B 室 

 

１．第 1 回プラズマエレクトロニクスインキュベ

ーションホール 

 古閑幹事（九大）より、第１回インキュベーシ

ョンホールついて準備状況が報告された。開催日

時は 2007 年 9 月 12-14 日、場所は滋賀県のマキノ

パークホテルである。参加者数は総勢 68 名（学生

45 名、社会人 11 名、講師・幹事 12 名）であり、

例年通りの開催規模となる見通しである。レクレ

ーション（フィッシング、サイクリング）開催に

伴い傷害保険を導入する予定である。また、開催

時期に関して、応物事務局側より「応物学会の開

催時期と近いので再考してもらえませんか」との

打診を受けていることが報告された。 

 

２．第 18 回プラズマエレクトロニクス講習会 

 本年度のプラズマエレクトロニクス講習会につ

いて、平田幹事（武蔵工大）より、準備状況、確

認事項及び今後の予定について報告がなされた。

開催日は 11 月 1 日-2 日で、場所は東工大の百年

記念館である。学協会への協賛依頼、分科会会誌

及びホームページへの告知掲載、宣伝ポスター及

びチラシの作成を行い積極的な広報活動を行って

いる。プラズマエレクトロニクス分科会特別講演

では、名古屋大学の関根先生より「2035 年のプラ

ズマ技術」という題目でアカデミックロードマッ

プについて解説・紹介して頂き、本特別講演に限

り聴講自由（無料）とし一般の参加者に広く参加

してもらうことが承認された。今後の予定では、

参加者の勧誘活動を重点的に行っていくことで一

致した。 

 

３．第 22 回光源物性とその応用研究会について 

 光源物性とその応用研究会について、明石幹事

（防大）より報告が行われた。本年度は、「新光源、

一般光源及び放電プラズマ光源の基礎・応用」と

いうテーマで、12 月 6 日-7 日に名古屋工業大学に

て開催される。主に照明学会及び本分科会のジョ

イントで行われる。プラズマ応用の重要な一分野

でもあり、今後とも広く参加を呼びかけていくこ

とを確認した。 

  

４．第 25 回プラズマプロセシング研究会（SPP-25）

について 

 SPP-25 について、八田委員（高知工業大）より

進捗状況の説明が行われた。2008 年 1 月 23 日-25

日の日程で、山口県教育会館及び山口県社会福祉

会館の二つの会場で行われる。橘先生（京大）及

び中山先生（阪大）による特別講演、岡崎先生（東

工大）及び高井先生（名大）による指定テーマ講

演について内諾を得ている。一般講演及び進め方

は、昨年と同様に行う。研究会チラシは作成済み

で、応物会場での配布を行うと共に広く広報活動

を行っていく。 

 

５．2007 年秋季応用物理学会学術講演会のシンポ

ジウム／総合講演、および合同セッションについ

て 

中村幹事（中部大）に代わって明石幹事（防大）

より 2007 年秋シンポジウム「プラズマとその応用

プロセスのシミュレーション－現状とさらなる飛

躍に向けて－」について、また、本日の合同セッ

ションについて紹介があった。 

 

６．2008 年春季応用物理学会関係連合講演会のシ

ンポジウム／総合講演（案）、および合同セッショ

ン（案）について 

江利口幹事（京大）に代わって畠山幹事長（東北

大）より、2008 年春季応用物理学会学術講演解の

シンポジウム案について紹介が行われた。シンポ

ジウム担当幹事からテーマ案として、①「液相で

のプラズマ応用技術の課題と今後の展望」、②「プ

ラズマ技術のバイオ（医療）への応用」、③「プラ

ズマプロセスにおけるパルス制御技術の現状と今

後の展開」が紹介された。これまでに提案された

シンポジウム案を含め、引き続き今後も検討を重

ねることになった。 

 

７．分科会ホームページについて 

 吉村幹事（阪大）より、分科会ホームページの

現状について、簡潔な説明が行われた。 

 

８．プラズマエレクトロニクス分科会会報（No.47、

12 月発行予定）について 

 布村幹事（産総研）より、No.47 分科会会報案

について説明された。巻頭言の執筆については、

吉田（豊）先生（東大）を第一候補として依頼す

ることとなった。また、プラズマエレクトロニク

スの大分類化及びアカデミックロードマップにつ

いても、これらはビックイベントであるため、次

号の会報に掲載することを決定した。会誌発行時

期は、プラズマエレクトロニクスの大分類化に関
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する紹介を含め来春の応物学会講演申し込み前に

会誌が届くよう、例年より早めとし 12 月初めに行

うことで一致した。会報の記事に、応物学会発行

の Applied Physics Express（APEX）の案内を含

めることも確認した。 

 

９．会員名簿の作成について 

 佐藤幹事（室蘭工大）より、会員名簿作成の進

捗状況、掲載内容ついて報告がなされた。2007 年

12月のNo.47会報発行に合わせた発行を予定して

いる。掲載内容として、氏名、会員番号、所属（名

称、住所、電話、ファックス番号、電子メール）、

自宅（住所、電話、ファックス番号、電子メール）、

学歴、専門分野キーワードとする予定である。学

歴、専門分野キーワードについては応物事務局の

データ－ベースを利用する。個人情報保護の観点

から各情報の掲載可否を往復葉書にて確認するこ

ととする。但し、情報の掲載を拒否された場合で

も、当該会員の氏名は名簿に掲載することとする。

データベース作成用にアルバイト代を支出するこ

とを了承した。 

 

１０．アカデミックロードマップについて 

 関根幹事（名大）より、アカデミックロードマ

ップについての進捗状況、今後の予定について説

明が行われた。今後テーマリーダ会議を開き、2007

年度末には最終バージョンができる予定である。 

 

１１．応物 75 周年記念理科工作教室報告 

 応物 75 周年記念事業の一環として、理科工作教

室が東京丸の内の科学技術館で8月 3日-4日に行

われた。参加人数は、延べ 1000－1500 名程度で大

盛況あった。本分科会からは、プラズマに関連し

た電子技術の展示及びアカデミックロードマップ

の展示が行われた。野崎委員（東工大）と平田幹

事（武蔵工大）により、蒸着膜付きのキーホルダ

ーにペンシル（大気圧）プラズマを当てて文字や

絵を描く実演が行われ、待ち時間が一時間を越え

るくらい大変大盛況なイベントとなったとの報告

があった。 

 

１２．第 6 回プラズマエレクトニクス賞候補論文

募集について 

 畠山幹事長（東北大）より、第 6 回プラズマエ

レクトニクス賞についての案内があった。締め切

りは 2007 年 12 月 25 日であり、分科会ホームペー

ジでも告知されている。 

 

１３．プラズマエレクトロニクスの大分類化 

 企画運営委員会の豊田委員（名大）より、プラ

ズマエレクトロニクス分野の大分類化について報

告された。2008 年春季応用物理学会学術講演会よ

り、放射線・プラズマエレクトロニクス大分類（大

分類番号１）から独立し、プラズマエレクトロニ

クス大分類（大分類番号８）となることが確定し

た。中分類として、①プラズマ生成・制御、②プ

ラズマ診断・計測、③プラズマ製膜・表面処理、

④プラズマエッチング、⑤プラズマナノテクノロ

ジー、⑥プラズマ現象・新応用・融合分野、でス

タートする見込みで今後承認される予定である。

装い新たに大分類化しスタートするので、多数の

講演申し込みを行うことで一同一致した。 

 

１４．ICRP-7/GEC2010 合同開催（案）について 

 ICRP と GEC の合同開催（案）について、2007

年 9 月 5 日に行われた臨時幹事会における決定事

項が畠山幹事長（東北大）及び斧委員（京大）よ

り説明された。開催場所の選定が焦点となるが、

第一案としては日本、第二案はハワイ、それでも

理解が得られないようであれば、米国本土での開

催を提案することとなった。また、ESCAMPIG も含

めた日米欧の共同開催についても受け入れること

を確認した。 

 

１５．プラズマ分野の学会連携活動について 

 物理学会領域２より提案されていた「プラズマ

分野の学会連携活動」について、畠山幹事長（東

北大）より説明が行われた。プラズマ核融合学会

及び学振プラズマ材料科学第 153 委員会との共催

で、既に 2 回催されている「プラズマ科学シンポ

ジウム」をベースに連携活動を検討する。今後は、

他の協力団体との議論や意見の摺り合わせなどを

行っていくことも必要であり、節原副幹事長（阪

大）を窓口として置くことが了承された。 

 

以上 
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応用物理学会プラズマエレクトロニクス分科会 

平成 19 年度 第 3 回幹事会議事録 

日時：平成 19 年 11 月 17 日（土）10:30～17：00 

場所：武蔵工業大学世田谷キャンパス 3 号館 4 階

メモリアルホール A 

 

 

1．諸報告＜畠山＞ 

 特になし。 

 

2．アカデミックロードマップ作成委員会＜関根＞ 

 関根委員長（名大）より、アカデミックロード

マップのこれまでの経緯の説明後、各テーマに分

かれて最終案作成のための討議が一時間半程度行

われた。その後、中間報告から追記された部分や

改良点を含めた最終案の報告が各テーマリーダー

から行われた。最終案（サブマップおよび説明文

1.5 ページ程度）はテーマリーダーが持ち帰り、

11 月 19 日までに関根委員長（名大）まで提出す

ることが確認された（応物への原稿提出は 20 日）。

また、最後に本アカデミックロードマップは、二

年毎に改定されることが周知された。 

 

3．今年度経理状況・来年度予算案及び引継ぎ幹事

について＜佐野＞ 

 佐野幹事（兵庫県立大）より、平成 19 年度 11

月 16 日までの決算状況および平成 20 年度予算案

の詳細な報告がなされた。この際、佐藤幹事（室

蘭工大）より分科会名簿作成のためのアルバイト

料が執行されたことが報告された。引継ぎに関し

ては、太田幹事（和歌山大）の出席をもって確認

された。 

 

4．第 22 回光源物性とその応用研究会および次年

度研究会＜佐藤・明石＞ 

 佐藤幹事（室蘭工大）より、12 月 7 日に開催さ

れる光源物性とその応用研究会の説明が行われた。

他には無い伝統ある研究会なので盛り上げていき

たいとのコメントがあった。 

 

5．第 25 回プラズマプロセシング研究会（SPP-25）

について＜福政＞ 

 福政実行委員長（山口大）より、SPP-25 開催の

準備状況に関して報告がなされた。本研究会は、

2008 年 1 月 23 日(水)～25 日(金)に、メイン会場

として山口県教育会館、ポスター会場としてゆ～

あいプラザ山口県福祉会館大ホール 4F にて開催

される。現在の講演件数は一般講演が 165 件、特

別および指定テーマ講演が 4 件の計 169 件となっ

ている。メイン会場とポスター会場が離れている

ため、移動時間を配慮した日程を組む予定である

ことが述べられた後、一般講演内訳および研究会

セッションの原案および収支見込みが説明された。

プロシーディングへの広告掲載に関して、その件

数が少ない場合は積極的に幹事にメールを出して

依頼すればどうかという意見が出された。また、

畠山幹事長より本研究会会期中の 24 日昼食時に

第4回PE分科会幹事会が開催されることが周知さ

れた。 

 

6．第 18 回 PE 講習会報告＜平田・根岸＞ 

 平田幹事（武蔵工大）より、11 月 1 日～2 日に

東京工業大学 大岡山キャンパス百年記念館で開

催された PE 講習会の報告がなされた。51 名の参

加があったが、昨年と比較し 18 名減となったこと

が懸念された。この参加者の減少およびそれに伴

う減収については、プラズマ関連の国内研究会や

国際会議が本講習会と近い日程で例年より頻繁に

開催されたことなど外的要因が挙げられた。また、

随時、講習会の内容を吟味して次につなげて行か

なければならないという意見が出された。 

 

7．第 1回 PE インキュベーションホール報告＜古

閑・米倉・節原＞ 

 古閑幹事（九大）より、9月 12 日～14 日にかけ

て奥琵琶湖マキノパークホテルにて開催された

PE インキュベーションホールの概要、会計および

時期開催予定について報告された。参加者の評価

はおおむね良好であったが、食事の改善およびス

ケジュールの改善（エクスカージョンが中盤にあ

ったため）が挙げられた。次期会期については、

2009 年 9 月 10 日～12 日を検討しているが、大学

の夏休みや応物（2009 年 9 月 2 日～5 日）および

ISPC のサマースクール（8 月末）との関連もあり

調整が難しい。それを受け、参加大学の夏休み    

期間の調査が提案された。 

 

8．PE 分科会会報 No.47 (案)について＜布村・柳

生＞ 

 布村幹事（産総研）より、分科会会報 No.47 に

ついて、ほぼスケジュール通り進んでいることが

報告された。今回、新しい試みとしてトピックス

が組まれ、佐藤先生（東北大）の Von Engel Prize

受賞、プラズマエレクトロニクス分野の大分類化、

アカデミックロードマップが掲載される予定であ

る。また、分科会が更に発展するための会報の役
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割りが論議され、分科会全会員にメリットがある

構成の重要性が説かれた。そのためには、これま

での情報交換を主体とした会報ではなく、学術的

な要素を有しつつも、学生の関心を引くような記

事を掲載した魅力のある会報作りを目指さなけれ

ばならないとの意見が出された。本件に関しては、

再度、SPP-25 での幹事会（1 月）および 3 月の幹

事会にて協議し、その折に試案を提出することが

会報編集委員に課された。 

 

9．2008 年春季応物学会のシンポジウム／分科内

総合講演(案)について＜江利口・奥村＞ 

 江利口幹事（京大）より、2008 年第 55 回応物

学会（春季）のシンポジウムおよび分科内総合講

演に関する進捗状況の報告があった。今回のシン

ポジウムは、「液相プラズマ科学の研究課題と応用

への展望」と題し開催される。発表者には既に承

諾を得ており、発表題目も決定もしくは仮決定し

ていることが報告された。その開催第一希望日を

2008 年 3 月 29 日（土）（学会 3 日目）、開催第二

希望日を 2008 年 3 月 28 日（金）（学会 2日目）と

し、時間は 13 時 30 分～17 時 35 分が予定されて

いる。また、本シンポジウムの部屋を論決する際、

申込書内の参加予想人数が多いと収容できる部屋

に限りがあるため、競争率が上がり希望の部屋を

押さえられない可能性があるのではないか、との

質問が出された。これに対し、昨年のシンポジウ

ム参加者の実測 150 名＋αを考慮し、シンポジウ

ム申込書の参加予想人数を 300 名から 250 名に下

方修正した。また、PE 賞受賞に関しては、例年通

り授賞式のみとし、当日は 13 時 15 分～13 時 30

分が割当てられている。 

 

10．次年度新幹事候補（12 月選挙）について 

 留任幹事および候補者の数に地域差が生じない

よう配慮しながら、後任幹事について 検討され

た。昨年行われた議論より、後任幹事を同じ研究

室から推薦することは、広がりを持った分科会に

するためにも望ましくないことが再度確認された。

また、分科会幹事の増員について、応物 HP の分科

会に関する規約には分科会幹事定員数に関する規

定は無い ことが確認され、留任および新任幹事

数のバランスを考えながら、今後も検討していく  

余地があることが論じられた。 

 

 

 

11．応物新大分類「8プラズマエレクトロニクス」

について＜関連委員 豊田＞ 

 2008 年 4 月より、新大分類として「大分類番号：

8 大分類名：プラズマエレクトロニクス」が発足

したことが報告された。大分類番号 8 は基礎的分

野として割当てられた番号であり、それ以後の大

分類には新しい大分類番号が割振られることにな

る。2008 年第 55 回応物学会（春季）から始動す

るため、講演の多数協力が求められた。 

 

12．GEC2010/ICRP-7 合同開催について＜関連委員 

堀・斧＞ 

 堀先生（名大）より、GEC2010/ICRP-7 の合同国

際会議がフランスパリ郊外にて 11 月に開催され

ることが説明され、PE 分科会が全面的にサポート

していくことが確認された。また、ICRP 側の

Organizing Committee Chair として、これまで GEC

側と協議してきた堀先生（名大）が承認され、挨

拶として本会議に対する意気込みや若手研究者の

開催側への積極的な参加協力などが告げられた。

今後も引き続き GEC 側と詳細なスケジュールなど

の調整を行っていくことが確認された。 

 

13．American Vacuum Society（AVS）との関わり

について＜畠山＞ 

 畠山幹事長（東北大）より、今後とも American 

Vacuum Society（AVS）を含む世界の各学会と積極

的に交流を深めていくことが確認された。今後 2

年間、AVS の執行委員は浜口先生（阪大）である

ことが紹介された。また、例えば、AVS の執行委

員の候補をGECのようにPE分科会の承認を得て推

薦していく等の関わり方についての議論がなされ

たが、具体的な方策については浜口先生の方から

PE 分科会幹事会に提案して戴くことが宜しいと

の結論になった。本件に関しては、次回以降の幹

事会においても議論していくことが確認された。 

 

14．その他 

第 6 回プラズマエレクトロニクス賞の紹介があっ

た。PE 賞を今後とも盛り上げていくことが確認さ

れた。締め切りは 12 月 25 日である。 

 

以上 
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プラズマエレクトロニクス関連会議日程 
 

国際会議 
2008.4.21-4.23 

The 6th EU-Japan Joint Symposium on Plasma Processing (JSPP2008) 

Okinawa Convention Center, Okinawa, Japan 

http://www.camt.eng.osaka-u.ac.jp/EU-JAPAN/ 

 

2008.6.9-6.13  

35th EUROPEAN PHYSICAL SOCIETY Conference on Plasma Physics  

Hersonissos, Crete, Greece  

http://eps2008.iesl.forth.gr/ 

 

2008.6.15-6.19 

2008 IEEE Pulsed Power and Plasma Science Conference  

Karlsruhe, Germany 

http://www.icops2008.org/ 

 

2008.7.15-19 

the XIX Europhysics Conference on Atomic and Molecular Physics of Ionised Gases 

(ESCAMPIG) 

Granada, Spain 

http://www.escampig2008.csic.es/General-Information.php/ 

 

2008.9.8-12 

International Congress on Plasma Physics (ICPP2008) 

Fukuoka 

http://www.triam.kyushu-u.ac.jp/ICPP/index.html 

 

2008.10.13-10.17  

61st Annual Gaseous Electronics Conference 

Dallas, TX 

http://www.aps.org/ 

 

2008.10.19-10.24  

AVS 55th International Symposium 

Washington, USA 

http://www.avs.org/ 

 

2008.11.17-11.21  

50th Annual Meeting of the APS Division of Plasma Physics  

Dallas, TX 

http://www.apsdpp.org/ 
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国内会議・会合 
2008.1.17  

第１回名古屋大学プラズマナノ工学スクール 

名古屋大学野依記念学術交流館 

http://www.plasma.engg.nagoya-u.ac.jp/school2008/index.html 

 

2008.1.23-1.25  

第25回プラズマプロセシング研究会（SPP-24） 

山口県教育会館, ゆ～あいプラザ山口県社会福祉会館 

http://www.eee.yamaguchi-u.ac.jp/spp25/ 

 

2008.1.30-2.1  

レーザー学会学術講演会第２８回年次大会 &  

第6回アジアパシフィックレーザーシンポジウム（APLS 2008） 

名古屋国際会議場 
http://wwwsoc.nii.ac.jp/lsj/index.html 
 

2008.3.22-3.26 

日本物理学会第63回年次大会 

近畿大学 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jps/index.html 

 

2008.3.28-3.30 

2008年春季 第55回応用物理学関係連合講演会 

日本大学理工学部 船橋キャンパス 

http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/index.html 

 

2008.9.2-9.5 

2008年（平成20年）応用物理学会秋季講演会 

中部大学 

http://www.jsap.or.jp/activities/annualmeetings/regularmeeting.html 

 

2008.9.20-9.23 

日本物理学会秋季大会[物性] 

岩手大学 

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jps/index.html 

 

2008.12.2-12.5 

第25回 プラズマ・核融合学会 年会 

栃木県総合文化センター 

http://www.jspf.or.jp/ 

 



編集後記 

 

プラズマエレクトロニクス分科会会報No.47をお届け

します。巻頭言を執筆して頂きました吉田豊信先生をはじ

め本誌にご寄稿いただきました皆様に心よりお礼申し上

げます。編集作業を通し、皆様方のご尽力の上に本誌・

本分科会が成り立っていることを改めて認識しました。 
本号の巻頭言では、吉田豊信先生に「プラズマインター

フェイシング」と題し、将来性のあるプラズマエレクトロニクス

に心躍るメッセージを頂きました。プラズマでしか出来ない

界面ナノ構造の制御、そして、これに伴うマクロスケールで

の新機能性の発現といった究極のプラズマ応用が、今後の

プラズマエレクトロニクス分野の進むべき一方向ではないか

とご教授して頂きました。現在の半導体プロセス分野では、

勿論、このようなプラズマインターフェイシングが、高性能微

細デバイスの作製に重要な役割を担っていますが、今後は、

さらにこの時々刻々と変化する界面の非線形物理化学を学

際的視点に立って理解・制御することが新機能デバイスの

創製に繋がるものと考えられます。 

また、本号では、今回話題性のあるテーマを「トピックス」

として取り上げました。プラズマエレクトロニクス大分類の発

足、プラズマ･プロセス技術のアカデミックロードマップ、佐

藤徳芳先生のVon Engel Prize受賞、全て明るい話題です。

プラズマエレクトロニクス大分類の発足は、本分科会の諸先

輩・諸先生方の長年のご尽力がやっと実った大変嬉しいニ

ュースです。プラズマ･プロセス技術のアカデミックロードマ

ップでは、30年先の夢のあるプラズマ技術と社会との関わり

を美しい写真・イラストを交え一目で分かるように解説して頂

きました。また、佐藤先生の受賞は、プラズマ基礎・応用の

両分野における先生の独創的なご研究が高く評価された日

本人初の受賞です（なお、本賞の前身にあたるPenning 

Prizeでは、1997年に武田進先生が受賞されております）。 

 最後に、研究会や国際会議などを開催する際には、ぜ

ひ本誌に案内記事をご寄稿いただきますようお願いしま

す。会議報告、研究室紹介、海外情報などの記事も随時

募集しております。会報編集委員の連絡先は、６月発行

の会誌の「分科会幹事役割分担」欄をご覧ください。今

後とも、プラズマエレクトロニクス分科会会報の発行に

ご協力いただけますようお願いいたします。 
 
（平成19年度会報編集担当：吉村，森川，柳生, 布村） 

（文責：布村） 
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